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(57)【要約】
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、基板と、前
記基板上に配列された２以上の画素電極と、少なくとも
一つの前記画素電極の隣に位置し、前記基板上に配置さ
れたバス電極と、前記画素電極上に塗布法で形成された
有機層と、前記基板上に配置され、前記有機層の配置領
域を規定する２以上のバンクと、前記有機層上に配置さ
れ、前記バス電極と接続された対向電極と、を有し、前
記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極と
の間に配置されたバンクと、前記画素電極間に配置され
たバンクとが、含まれ、前記バス電極と前記画素電極と
の間に配置されたバンクの表面の濡れ性は、前記画素電
極間に配置されたバンクの濡れ性よりも低い。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に配列された２以上の画素電極と、
　少なくとも一つの前記画素電極の隣に位置し、前記基板上に配置されたバス電極と、
　前記画素電極上に配置された有機層と、
　前記基板上に配置され、前記有機層の配置領域を規定する２以上のバンクと、
　前記有機層上に配置され、前記バス電極と接続された対向電極と、を有する有機ＥＬデ
ィスプレイパネルであって、
　前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバンクと、
前記画素電極間に配置されたバンクとが、含まれ、
　前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバンクの表面の濡れ性は、前記画素電
極間に配置されたバンクの濡れ性よりも低い、有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項２】
　前記画素電極間に配置されたバンクの上面におけるアニソールの接触角は、３０°以上
４０°未満であり、
　前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバンクの上面におけるアニソールの接
触角は、４０°以上５５°以下である、請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項３】
　前記２以上のバンクは、それぞれフッ素含有樹脂を含む、請求項１に記載の有機ＥＬデ
ィスプレイパネル。
【請求項４】
　前記画素電極上に配置された正孔注入層をさらに有し、
　前記有機層は、前記正孔注入層上に配置された正孔輸送層と、前記正孔輸送層上に配置
された有機発光層とを含む、請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項５】
　基板と、
　前記基板上に配列された２以上の画素電極と、
　少なくとも一つの前記画素電極の隣に位置し、前記基板上に配置されたバス電極と、
　前記画素電極上に配置された有機層と、
　前記基板上に配置され、前記有機層の配置領域を規定する２以上のバンクと、
　前記有機層上に配置され、前記バス電極と接続された対向電極と、を有する有機ＥＬデ
ィスプレイパネルであって、
　前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバンクと、
前記画素電極間に配置されたバンクと、が含まれ、
　前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバンクの前記画素電極側のテーパ角度
は、前記画素電極間に配置されたバンクのテーパ角度よりも小さい、有機ＥＬディスプレ
イパネル。
【請求項６】
　前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバンクの前記画素電極側のテーパ角度
は、２０°以上３０°以下であり、
　前記画素電極間に配置されたバンクのテーパ角度は、３０°超６０°以下である、請求
項５に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項７】
　前記２以上のバンクは、それぞれフッ素含有樹脂を含む、請求項５に記載の有機ＥＬデ
ィスプレイパネル。
【請求項８】
　前記画素電極上に配置された正孔注入層をさらに有し、
　前記有機層は、前記正孔注入層上に配置された正孔輸送層と、前記正孔輸送層上に配置
された有機発光層とを含む、請求項５に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
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【請求項９】
　２以上の画素電極と、少なくとも一つの前記画素電極の隣に位置するバス電極と、が配
置された基板を準備するステップと；
　前記基板上に感光性樹脂膜を形成するステップと；
　前記感光性樹脂膜を露光し、現像して、２以上のバンクをパターニングするステップで
あって、前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバン
クと、前記画素電極間に配置されたバンクと、が含まれ；
　前記２以上のバンクを焼成して、前記２以上のバンクを前記基板上に固定するステップ
と；
　前記焼成後、前記画素電極間に配置されたバンクのみに選択的に活性光線を照射するス
テップと；
　前記２以上のバンクによって規定された領域内の前記画素電極上に有機層の材料を含む
インクを塗布して、有機層を形成するステップと；を有する有機ＥＬディスプレイパネル
の製造方法。
【請求項１０】
　２以上の画素電極と、少なくとも一つの前記画素電極の隣に位置するバス電極と、が配
置された基板を準備するステップと；
　前記基板上にネガ型の感光性樹脂膜を形成するステップと；
　前記感光性樹脂膜を露光し、現像して、２以上のバンクをパターニングするステップで
あって、前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバン
クと、前記画素電極間に配置されたバンクと、が含まれ；
　前記現像後、前記画素電極間に配置されたバンクのみを再度露光するステップと；
　前記２以上のバンクを焼成して、前記２以上のバンクを前記基板上に固定するステップ
と；
　前記２以上のバンクによって規定された領域内の前記画素電極上に有機層の材料を含む
インクを塗布して、有機層を形成するステップと；を有する有機ＥＬディスプレイパネル
の製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイパネルおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬディスプレイパネルとは、有機化合物の電界発光を利用した発光素子（有機Ｅ
Ｌ素子）を有するディスプレイパネルである。つまり有機ＥＬディスプレイパネルは、画
素電極と、画素電極上に配置された有機発光層と、有機発光層上に配置された対向電極を
含む有機ＥＬ素子を有する。有機発光層に含まれる有機ＥＬ材料は、低分子有機化合物の
組み合わせ（ホスト材料およびドーパント材料）と、高分子有機化合物とに大別されうる
。高分子有機化合物の例には、ＰＰＶと称されるポリフェニレンビニレンやその誘導体な
どが含まれる。高分子有機化合物を利用した有機ＥＬディスプレイパネルは、比較的低電
圧で駆動でき、消費電力が少なく、ディスプレイパネルの大型化に対応しやすいと言われ
ており、積極的に研究が行なわれている。
【０００３】
　しかし、有機ＥＬ素子を有するディスプレイパネルを大型化すると、配線からの電流が
十分に供給されない領域が生じ、ディスプレイパネルの端部と中央部とで輝度が不均一に
なることがあった。特に、薄膜トランジスタでそれぞれの有機ＥＬ素子を駆動するアクテ
ィブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイパネルでは、パネル内の各有機ＥＬ素子が一つ
の共通対向電極を共有することから、例えば、パネルの中央部の画素からグランド電極ま
での距離と、パネルの端部の画素からグランド電極までの距離とが異なる。このように画
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素からグランド電極までの距離が画素の位置によって変動すると、配線抵抗も画素の位置
によって変動する。これにより対向電極に流れる電流の量が不均一になりやすい。このた
め、特にアクティブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイパネルでは、輝度のばらつきが
顕著になるという問題があった。
【０００４】
　このような問題を解決するために、高い導電性を有し、対向電極と電気的に接続された
バス電極を形成する手法が知られている（例えば特許文献１～７参照）。
【０００５】
　図１は、特許文献１に開示された有機ＥＬデバイスの断面図である。図１に示されるよ
うに、特許文献１に開示された有機ＥＬデバイスは、絶縁基板１１上に配置された画素電
極１３、画素電極１３上に配置された有機層１５、有機層１５上に配置された対向電極１
７および絶縁基板１１上に配置されたバス電極１９を有する。バス電極１９は対向電極１
７と接続される。
【０００６】
　図１に示された有機ＥＬデバイスでは、バス電極１９が対向電極１７に電気的に接続さ
れているため、仮に対向電極１７の抵抗が高かったとしても、対向電極１７に流れる電流
の量を一定にすることができ、有機ＥＬディスプレイパネル内で、輝度がばらつくことを
防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－１１１３６９号公報
【特許文献２】特開２００６－１１３３７６号公報
【特許文献３】特開２００７－１０３１２６号公報
【特許文献４】特開２００５－０３１６４５号公報
【特許文献５】米国特許出願公開第２００６／００８２２８４号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２００５／００５１７７６号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００４／０１０８８１０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、図１に示されたような対向電極と接続するバス電極を有する有機ＥＬディスプ
レイパネルでは、有機層をインクジェットなどの塗布法で形成する場合、有機層の膜厚が
不均一になるという問題があった。有機層の膜厚が不均一になると、有機ＥＬディスプレ
イパネルの輝度がばらつくだけでなく、有機ＥＬディスプレイパネルの寿命も縮まる。
【０００９】
　以下図２Ａ～Ｄを参照し、バス電極を設けることと、塗布法で形成される有機層の膜厚
が不均一になることとの関係について説明する。
【００１０】
　図２Ａは、有機層が形成される前の有機ＥＬディスプレイパネルの断面の一部拡大図で
ある。図２Ａに示された有機ＥＬディスプレイパネルは、基板１０１上に配列された画素
電極１０３Ｒ、１０３Ｇ、１０３Ｂと、バス電極１０５と、バンク１０７とを有する。バ
ンク１０７には、バス電極１０５と画素電極１０３との間に配置されたバンク（以下「画
素－バス間バンク」とも称する）１０７ａと、画素電極間に配置されたバンク（以下「画
素間バンク」とも称する）１０７ｂとが含まれる。
【００１１】
　画素電極１０３Ｒ上には赤色光を発光する有機層（有機発光層）が配置され；１０３Ｇ
上には緑色光を発光する有機層が配置され；１０３Ｂ上には青色光を発光する有機層が配
置される（図２Ｄ参照）。バス電極１０５は、通常、ＲＧＢの三色の副画素からなる１つ
の画素を挟むように配置される。
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【００１２】
　図２Ｂは、バンク１０７によって規定された領域内の画素電極１０３上に、有機層の材
料液１３０を塗布した様子を示す。このときバス電極１０５上には、有機層の材料液１３
０が存在しないため、画素－バス間バンク１０７ａの近傍では材料液１３０の溶媒の蒸気
濃度が低くなる。
【００１３】
　図２Ｃは、バンク１０７によって規定された領域内の有機層の材料液１３０が乾燥する
様子を示す。上述のように、バス電極１０５の近傍では溶媒の蒸気濃度が低いので、有機
層の材料液の乾燥が促進される。塗布された材料液は、乾燥速度の速い方へ対流するため
、画素電極１０３Ｒ上に塗布された有機層の材料液は、画素－バス間バンク１０７ａ側に
引き寄せられる。同様に、画素電極１０３Ｂ上に塗布された有機層の材料液１３０も、画
素－バス間バンク１０７ａ側に引き寄せられる。
【００１４】
　その結果、図２Ｄに示されるように、画素－バス間バンク１０７ａと画素間バンク１０
７ｂとに規定された領域内に形成された有機層（１０９Ｒおよび１０９Ｂ）の端部の高さ
がばらつくことがあった。図２Ｅは、図２Ｄに示された有機層１０９Ｒの拡大図を示す。
図２Ｅに示されるように、画素－バス間バンク１０７ａ側の有機層１０９Ｒの端部１０９
Ｅは、画素間バンク１０７ｂ側の有機層１０９Ｒの端部１０９Ｅ’よりも高い。
【００１５】
　有機層の端部の高さがばらつくと、有機層の膜厚が不均一になる。図３は、図２Ｄに示
された有機ＥＬディスプレイパネルの有機層の膜厚分布を示す。図３に示されるように、
画素－バス間バンク１０７ａと画素間バンク１０７ｂとに規定された領域内に形成された
有機層１０９Ｒおよび１０９Ｂの膜厚は、画素－バス間バンク１０７ａ側で厚くなり、画
素間バンク１０７ｂ側では薄くなる。このようにバス電極を配置した場合、有機層の端部
の高さがばらつき、有機層の膜厚が不均一になることがあった。
【００１６】
　本発明の目的は、バス電極を設ける場合であっても、膜厚が均一の有機層を有する有機
ＥＬディスプレイパネルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明者は、バス電極と画素電極との間に配置されたバンクの性状と、画素電極間に配
置されたバンクの性状とを調節することで、有機層の端部の高さを均一化して、有機層の
膜厚を均一にできることを見出し、さらに検討を加え、発明を完成させた。
【００１８】
　すなわち、本発明の第１は、以下に示す有機ＥＬディスプレイパネルに関する。
　［１］基板と、前記基板上に配列された２以上の画素電極と、少なくとも一つの前記画
素電極の隣に位置し、前記基板上に配置されたバス電極と、前記画素電極上に配置された
有機層と、前記基板上に配置され、前記有機層の配置領域を規定する２以上のバンクと、
前記有機層上に配置され、前記バス電極と接続された対向電極と、を有する有機ＥＬディ
スプレイパネルであって、前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間
に配置されたバンクと、前記画素電極間に配置されたバンクとが、含まれ、前記バス電極
と前記画素電極との間に配置されたバンクの表面の濡れ性は、前記画素電極間に配置され
たバンクの濡れ性よりも低い、有機ＥＬディスプレイパネル。
【００１９】
　本発明の第２は、以下に示す、有機ＥＬディスプレイパネルに関する。
　［２］基板と、前記基板上に配列された２以上の画素電極と、少なくとも一つの前記画
素電極の隣に位置し、前記基板上に配置されたバス電極と、前記画素電極上に配置された
有機層と、前記基板上に配置され、前記有機層の配置領域を規定する２以上のバンクと、
前記有機層上に配置され、前記バス電極と接続された対向電極と、を有する有機ＥＬディ
スプレイパネルであって、前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間
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に配置されたバンクと、前記画素電極間に配置されたバンクと、が含まれ、前記バス電極
と前記画素電極との間に配置されたバンクの前記画素電極側のテーパ角度は、前記画素電
極間に配置されたバンクのテーパ角度よりも小さい、有機ＥＬディスプレイパネル。
【００２０】
　本発明の第３は、以下に示す、有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法に関する。
　［３］２以上の画素電極と、少なくとも一つの前記画素電極の隣に位置するバス電極と
、が配置された基板を準備するステップと；前記基板上に感光性樹脂膜を形成するステッ
プと；前記感光性樹脂膜を露光し、現像して、２以上のバンクをパターニングするステッ
プであって、前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間に配置された
バンクと、前記画素電極間に配置されたバンクと、が含まれ；前記２以上のバンクを焼成
して、前記２以上のバンクを前記基板上に固定するステップと；前記焼成後、前記画素電
極間に配置されたバンクのみに選択的に活性光線を照射するステップと；前記２以上のバ
ンクによって規定された領域内の前記画素電極上に有機層の材料を含むインクを塗布して
、有機層を形成するステップと；を有する有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【００２１】
　本発明の第４は、以下に示す、有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法に関する。
　［４］２以上の画素電極と、少なくとも一つの前記画素電極の隣に位置するバス電極と
、が配置された基板を準備するステップと；前記基板上にネガ型の感光性樹脂膜を形成す
るステップと；前記感光性樹脂膜を露光し、現像して、２以上のバンクをパターニングす
るステップであって、前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間に配
置されたバンクと、前記画素電極間に配置されたバンクと、が含まれ；前記現像後、前記
画素電極間に配置されたバンクのみを再度露光するステップと；前記２以上のバンクを焼
成して、前記２以上のバンクを前記基板上に固定するステップと；前記２以上のバンクに
よって規定された領域内の前記画素電極上に有機層の材料を含むインクを塗布して、有機
層を形成するステップと；を有する有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、バス電極を設ける場合であっても、有機層の端部の高さを均一化して
、有機層の膜厚を均一化することができる。したがって、本発明によれば、有機層の膜厚
のばらつきが少なく、発光特性に優れた有機ＥＬディスプレイパネルを提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】従来の有機ＥＬディスプレイパネルに含まれる有機ＥＬ素子の断面図
【図２】画素を挟むようにバス電極を配置したときの有機層の挙動を示す図
【図３】有機層の膜厚分布を示すグラフ
【図４】紫外線照射時間とバンク上面におけるアニソールの接触角との関係を示すグラフ
【図５】乾燥過程における材料液の挙動を示す模式図
【図６】乾燥過程における材料液の挙動を示す模式図
【図７】実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネルの断面図
【図８】実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法を示す図
【図９】実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法を示す図
【図１０】実施の形態２の有機ＥＬディスプレイパネルの断面図
【図１１】実施の形態２の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　１．本発明の有機ＥＬディスプレイパネル
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、基板上にマトリクス状に配置された有機ＥＬ
素子を有する。各有機ＥＬ素子は、画素電極と、画素電極上に配置された有機層と、有機
層上に配置された対向電極とを有する。本発明では有機層は塗布法で形成される。
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　より具体的には、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、１）基板、２）２以上の画
素電極、３）バス電極、４）２以上のバンク、５）２以上の有機層、および６）対向電極
を有する。後述するように本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、バンクの性状に特徴
を有する。
【００２５】
　本発明は、対向電極と接続されたバス電極近傍の有機層の膜厚のばらつきを抑制するこ
とを目的とする。したがって、本発明は、バス電極が必要になるアクティブマトリクス型
有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、特に有効である。以下本発明の有機ＥＬディスプ
レイパネルのそれぞれの構成要件について説明する。
【００２６】
　１）基板
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの基板は、ボトムエミッション型か、トップエミ
ッション型かによって、その材料が異なる。例えば、ボトムエミッション型の場合は、基
板が透明であることが求められる。このような基板の材料の例には、ガラスや透明樹脂な
どが含まれる。一方、トップエミッション型の場合は、基板が透明である必要はない。こ
の場合、基板は絶縁体であればよい。
【００２７】
　また、基板は、有機ＥＬ素子を駆動するための薄膜トランジスタ（駆動ＴＦＴ）を有し
てもよい。ＴＦＴのソース電極またはドレイン電極は、後述する画素電極に接続される。
また、有機ＥＬ素子は、ＴＦＴデバイスのソース電極またはドレイン電極と同一平面に配
置されてもよい。もちろん、有機ＥＬ素子は、ＴＦＴデバイス上に積層して配置されてい
てもよい。
【００２８】
　２）画素電極
　画素電極は基板上に配置された導電性部材である。本発明の有機ＥＬディスプレイパネ
ルでは、２以上の画素電極がマトリクス状に配列される。画素電極は、通常陽極として機
能するが陰極として機能してもよい。
　ボトムエミッション型有機ＥＬディスプレイパネルでは、画素電極が透明であることが
求められる。このような画素電極の材料の例には、ＩＴＯ（酸化インジウム・スズ）やＩ
ＺＯ（酸化インジウム・亜鉛）、ＺｎＯ（酸化亜鉛）などが含まれる。
　トップエミッション型有機ＥＬディスプレイパネルでは、画素電極に光反射性が求めら
れる。このような画素電極の材料の例には、銀を含む合金、より具体的には銀－パラジウ
ム－銅合金（ＡＰＣとも称する）や銀－ルテニウム－金合金（ＡＲＡとも称する）、Ｍｏ
Ｃｒ（モリブデンクロム）、ＮｉＣｒ（ニッケルクロム）、アルミニウム－ネオジム合金
（Ａｌ－Ｎｄとも称する）、アルミニウム－ネオジム合金（Ａｌ－Ｎｄとも称する）など
のアルミニウム系合金などが含まれる。また反射性の画素電極の表面には、ＩＴＯ膜また
はＩＺＯ膜が配置されていてもよい。画素電極の厚さは、通常、１００～５００ｎｍであ
り、約１５０ｎｍでありうる。
【００２９】
　また、画素電極上には正孔注入層が配置されていてもよい。正孔注入層は、画素電極か
ら後述する有機層への正孔の注入を補助する機能を有する層である。このため、正孔注入
層は画素電極と有機層との間に配置される。
【００３０】
　正孔注入層の材料の例には、ポリスチレンスルホン酸をドープしたポリ（３，４－エチ
レンジオキシチオフェン）（ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳと称される）や遷移金属の酸化物などが
含まれるが、正孔注入層の材料は、遷移金属の酸化物であることが好ましい。ＰＥＤＯＴ
からなる正孔注入層は塗布法で形成されることから、正孔注入層の膜厚が均一になりにく
い。またＰＥＤＯＴは導電性であるため、有機ＥＬ素子がショートするおそれが高い。一
方、遷移金属の酸化物からなる正孔注入層は、スパッタリングで形成されることから、均
一な膜厚を有する。
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【００３１】
　遷移金属の例には、タングステンやモリブデン、チタン、バナジウム、ルテニウム、マ
ンガン、クロム、ニッケル、イリジウムおよびこれらの組み合わせなどが含まれる。好ま
しい正孔注入層の材料は、酸化タングステン（ＷＯｘ）または酸化モリブデン（ＭｏＯｘ
）である。正孔注入層の厚さは、通常、１０ｎｍ～１００ｎｍであり、約３０ｎｍであり
うる。また、画素電極から有機層への効率的に正孔の注入ができるのであれば、正孔注入
層は省略されてもよい。
【００３２】
　３）バス電極
　バス電極は、配線抵抗のばらつきを補正するための導電性部材である。バス電極によっ
てパネル内の各画素に均一な電圧を印加することができる。バス電極は基板上に配置され
る。バス電極は、後述対向電極と電気的に接続されている。バス電極は、少なくとも一つ
の画素電極の隣に配置される。バス電極と画素電極とは、後述するバンクによって絶縁さ
れている。バス電極の材料は画素電極の材料と同じであってもよいし、異なってもよい。
【００３３】
　４）バンク
　バンクは後述する有機層の配置領域を規定する隔壁である。また、バンクは、基板上に
配置される。バンクには、バス電極と画素電極との間に配置されたバンク（以下「画素－
バス間バンク」とも称する）と、画素電極間に配置されたバンク（以下「画素間バンク」
とも称する）とが含まれる。本発明は、画素－バス間バンクの性状と画素間バンクの性状
とが異なることを特徴とする。画素－バス間バンクおよび画素間バンクの性状については
後述する。
【００３４】
　バンクの基板の表面からの高さは０．１～３μｍであることが好ましく、０．８μｍ～
１．２μｍであることが特に好ましい。バンクの高さが３μｍ超であった場合、後述する
全ての有機ＥＬ素子が共有する一つの対向電極がバンクによって分断される恐れがある。
また、バンクの高さが０．１μｍ未満であった場合、バンクによって規定された領域内に
塗布されたインクがバンクから漏れ出すおそれがある。
【００３５】
　また、バンクの形状は順テーパ状であることが好ましい。順テーパ状とは、バンクの壁
面が斜めになっており、バンクの底面の面積がバンクの上面の面積よりも大きい形状を意
味する。バンクの形状がテーパ状である場合、テーパ角度は２０～８０°であり、特に３
０°～５０°であることが好ましい。バンクのテーパ角度が８０°超であった場合、後述
する全ての有機ＥＬ素子が共有する一つの対向電極がバンクによって分断される恐れがあ
る。
【００３６】
　バンクの材料は樹脂であれば特に限定されないが、フッ素含有樹脂を含むことが好まし
い。フッ素含有樹脂に含まれるフッ素化合物の例には、フッ化ビニリデン、フッ化ビニル
、三フッ化エチレン、およびこれらの共重合体等のフッ化樹脂などが含まれる。またフッ
素含有樹脂に含まれる樹脂の例には、フェノール－ノボラック樹脂、ポリビニルフェノー
ル樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂およびこれらの組み合わせが含まれる。
【００３７】
　フッ素含有樹脂のさらに具体的な例には、例えば特表２００２－５４３４６９号公報に
記載されているフッ素含有ポリマー（フルオロエチレン）とビニルエーテルとの共重合体
であるルミフロン（ＬＵＭＩＦＬＯＮ、登録商標、旭硝子）などが含まれる。
【００３８】
　本発明におけるバンクは、バンク上面の濡れ性が低いことを特徴とする。ここで「バン
クの上面」とはバンクの頂点を含む面を意味する。バンクの上面の濡れ性を低くすること
で、塗布法で形成される有機層の材料液を規定するというバンク本来の機能が確保される
。バンクの上面における水の接触角は８０°以上、好ましくは９０°以上であり；バンク
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上面におけるアニソールとの接触角は、３０°～７０°であることが好ましい。水および
アニソールの接触角は協和界面科学製の自動液晶ガラス洗浄・処理検査装置を用いて測定
されうる。
【００３９】
　また、バンクの壁面の濡れ性は、バンクの上面の濡れ性よりも高いことが好ましい。こ
こで「バンクの壁面」とは、後述する有機層と接する面を含む面を意味する。バンクの壁
面の濡れ性を高くすることで、後述する有機層の材料液がバンク壁面と馴染み、バンクに
よって規定された領域内に均一に濡れ広がることができる。バンクの壁面におけるアニソ
ールの接触角は、３°～３０°であることが好ましい。
【００４０】
　このように上面の濡れ性が低く、壁面の濡れ性が高いバンクは、所望の形状にパターニ
ングされたフッ素含有樹脂の膜を、ベーク処理（焼成処理）することにより形成されうる
。
【００４１】
　表１はベーク処理されたフッ素含有樹脂の厚さ（高さ）とフッ素含有樹脂膜の表面の濡
れ性との関係を示した表である。フッ素含有樹脂膜の表面の濡れ性は、水およびアニソー
ルの接触角で示される。水またはアニソールの接触角が大きくなればなるほど濡れ性が低
いことを意味する。水およびアニソールの接触角は協和界面科学製の自動液晶ガラス洗浄
・処理検査装置で測定された。
【００４２】
　また、表１はベーク処理されたフッ素含有樹脂の厚さ（高さ）と、フッ素含有樹脂膜の
表面のフッ素濃度との関係を示した表でもある。フッ素原子濃度は、Ｘ線光電子分光分析
装置（ＰＨＩ　Ｑｕａｎｔｅｒａ　ＳＸＭ（ＵＬＶＡＣ　ＰＨＩ社製））で測定された。
【００４３】
【表１】

【００４４】
　表１に示されるように、フッ素含有樹脂膜が厚く（高く）なればなるほど、フッ素含有
樹脂膜の表面におけるフッ素濃度は高くなる。フッ素成分は撥液性を有することから、フ
ッ素濃度が高くなればなるほど、水の接触角およびアニソールの接触角も大きくなる（濡
れ性が低くなる）。
【００４５】
　このため、フッ素含有樹脂で形成したバンクでは、上面の濡れ性が最も低くなり、壁面
下部の濡れ性が高くなる。
【００４６】
　また、バンクの濡れ性を調節するには、バンクをフッ素ガスでプラズマ処理してもよい
。フッ素ガスによるプラズマ処理でバンクの濡れ性を調節する場合、バンクの材料は、ポ
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リイミドまたはアクリル樹脂であることが好ましい。特にポリイミドは吸水性が低いこと
からバンクの材料として好ましい。
【００４７】
　画素－バス間バンクおよび画素間バンクの性状について
　上述したように本発明は、画素－バス間バンクの性状と、画素間バンクの性状とが異な
ることを特徴とする。ここで「バンクの性状」とは、バンクの表面の濡れ性やバンクのテ
ーパ角度などを意味する。すなわち画素－バス間バンクと画素間バンクとは、濡れ性およ
びテーパ角度のいずれか一方で異なっていてもよいし、両方で異なっていてもよい。以下
異なる性状がｉ）濡れ性である場合と、ii）バンクのテーパ角度である場合とに分けて、
画素－バス間バンクおよび画素間バンクの性状について説明する。
【００４８】
　ｉ）濡れ性が異なる場合
　この場合、画素－バス間バンクの表面の濡れ性は、画素間バンクの表面の濡れ性よりも
低いことが好ましい。より具体的には、画素－バス間バンクの上面におけるアニソールの
接触角は、４０°以上５５°以下であることが好ましく；一方、画素間バンクの上面にお
けるアニソールの接触角度は、３０°以上４０°未満であることが好ましい。また画素－
バス間バンクの壁面の濡れ性は、画素間バンクの壁面の濡れ性よりも低いことが好ましい
。画素－バス間バンクの濡れ性を画素間バンクの濡れ性よりも低くすることで、画素－バ
ス間バンクと画素間バンクとによって規定された領域内に形成された有機層の端部の高さ
を均一にすることができ、有機層の膜厚を均一にすることができる（実施の形態１参照）
。
【００４９】
　画素－バス間バンクの濡れ性を画素間バンクの濡れ性よりも低くするには、例えば、画
素間バンクのみに活性光線を照射し、画素間バンクの濡れ性を向上させてもよい。
【００５０】
　また、上述のようにフッ素含有樹脂で形成されたバンクの濡れ性は、バンクの高さに依
存することから、画素－バス間バンクを画素間バンクよりも高くすることで、画素－バス
間バンクの濡れ性を低下させてもよい。
【００５１】
　ii）テーパ角度が異なる場合
　この場合画素－バス間バンクの画素電極側のテーパ角度（以下、単に「画素－バス間バ
ンクのテーパ角度」とも称する）は、画素間バンクのテーパ角度よりも小さいことが好ま
しい。より具体的には、画素－バス間バンクのテーパ角度が２０°以上３０°以下である
ことが好ましく、画素間バンクのテーパ角度が３０°超６０°以下であることが好ましい
。画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間バンクのテーパ角度よりも小さくすることで
、画素－バス間バンクと画素間バンクとによって規定された領域内に形成された有機層の
端部の高さを均一にすることができ、有機層の膜厚を均一にすることができる（実施の形
態２参照）。
【００５２】
　画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間バンクのテーパ角度よりも小さくするには、
例えば、後述するように、バンクのパターニング後、画素間バンクのみを再度露光すれば
よい（図１１参照）。
【００５３】
　５）有機層
　有機層は、少なくとも有機発光層を含み、画素電極上に配置された層である。有機層は
、バンクによって規定される領域に有機層の材料液を塗布することで形成される。有機層
の材料液（有機層の材料をアニソールやシクロヘキシルベンゼンなどの有機溶媒に溶解し
たインク）を、インクジェットなどの塗布法によって塗布することによって、容易かつ他
の材料に損傷を与えることなく有機層を形成することができる。
【００５４】
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　従来のバス電極を有する有機ＥＬディスプレイパネルでは、画素－バス間バンクと画素
間バンクとによって規定された領域に形成される有機層の端部の高さがばらつくという問
題があった（図２Ｅ参照）。しかし本発明では、上述のように画素－バス間バンクおよび
画素間バンクの性状を調節することで、画素－バス間バンクと画素間バンクとによって規
定された領域に形成される有機層の端部の高さが均一化され、有機層の膜厚が均一である
という特徴を有する。ここで「有機層の端部」とは、有機層の対向電極側の表面の端部を
意味する。
【００５５】
　有機発光層に含まれる有機ＥＬ材料は、塗布法で有機発光層を形成できるのであれば、
高分子であっても、低分子であってもよい。
【００５６】
　低分子系有機ＥＬ材料は、ドーパント材料とホスト材料との組み合わせを含む。ドーパ
ント材料の例にはＢＣｚＶＢｉ（４，７－ジフェニル－１，１０－フェナントロリン）、
クマリン、ルブレン、ＤＣＪＴＢ（［２－ｔｅｒｔ－ブチル－６－［２－（２，３，６，
７－テトラヒドロ－１，１，７，７－テトラメチル－１Ｈ，５Ｈ－ベンゾ［ｉｊ］キノリ
ジン－９－イル）ビニル］－４Ｈ－ピラン－４－イリデン］マロノニトリル）などが含ま
れ、ホスト材料の例には、ＤＰＶＢｉ（４，４’－ビス（２，２－ジフェニルエテニル）
ビフェニル）、Ａｌｑ３（トリス（８－キノリノラト）アルミニウム）などが含まれる。
【００５７】
　高分子有機ＥＬ材料の例には、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリアセチ
レン（Ｐｏｌｙ　ａｃｅｔｙｌｅｎｅ）およびその誘導体、ポリフェニレン（Ｐｏｌｙ　
ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ）およびその誘導体、ポリパラフェニレンエチレン（Ｐｏｌｙ　ｐａ
ｒａ　ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ）およびその誘導体、ポリ３－ヘキシルチ
オフェン（Ｐｏｌｙ　３－ｈｅｘｙｌ　ｔｈｉｏｐｈｅｎｅ（Ｐ３ＨＴ））およびその誘
導体、ポリフルオレン（Ｐｏｌｙ　ｆｌｕｏｒｅｎｅ　（ＰＦ））およびその誘導体など
が含まれる。高分子有機ＥＬ材料を含む有機発光層は、塗布法により形成しやすいことか
ら、有機発光層に含まれる有機ＥＬ材料は、高分子有機ＥＬ材料であることが好ましい。
【００５８】
　一方、低分子有機ＥＬ材料の例には、トリス（８－キノリノラート）アルミニウムなど
が含まれる。
【００５９】
　有機ＥＬ材料は各副画素から所望の発色（レッドＲ、グリーンＧ、ブルーＢ）が生じる
ように、適宜選択される。例えば、レッド副画素の隣にグリーン副画素を配置し、グリー
ン副画素の隣にブルー副画素を配置し、ブルー副画素の隣にレッド副画素を配置する。ま
た、有機層の厚さは約５０～１５０ｎｍ（例えば６０ｎｍ）であることが好ましい。
【００６０】
　有機層は、さらに正孔輸送層（インターレイヤー）、電子輸送層などを有していてもよ
い。正孔輸送層は、画素電極または正孔注入層への電子の侵入をブロックする役割や、有
機発光層に正孔を効率よく運ぶ役割などを有し、例えばポリアニリン系の材料からなる層
である。したがって、正孔輸送層は、画素電極または正孔注入層と有機発光層との間に配
置される。正孔輸送層の厚さは通常、５ｎｍ以上１００ｎｍ以下であり、好ましくは１０
ｎｍ以上５０ｎｍ以下（例えば約２０ｎｍ）である。また、有機発光層へ効率的に正孔を
輸送できるのであれば、正孔輸送層は省略されてもよい。
【００６１】
　６）対向電極
　対向電極は有機層上に配置される導電性部材である。対向電極は通常陰極として機能す
る。対向電極の材料は、有機ＥＬディスプレイパネルがボトムエミッション型か、トップ
エミッション型かによって異なる。トップエミッション型の場合には、対向電極が透明で
ある必要があるので、対向電極の材料の例にはＩＴＯやＩＺＯなどが含まれる。さらに、
トップエミッション型の場合、有機層と対向電極との間に有機バッファー層を配置しても
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よい。
【００６２】
　一方、ボトムエミッション型の場合には対向電極が透明である必要はない。したがって
対向電極の材料は、導電性であれば任意である。このような対向電極の材料の例には、バ
リウム（Ｂａ）や酸化バリウム（ＢａＯ）、アルミニウム（Ａｌ）などが含まれる。
【００６３】
　対向電極は通常、スパッタリングにより形成される。また、有機ＥＬディスプレイパネ
ルに含まれる全ての有機ＥＬ素子は、１の対向電極を共有してもよい。
【００６４】
　対向電極上には、さらに封止膜が配置されていてもよい。封止膜は、有機層や画素電極
などを水分や熱、衝撃などから保護するための膜である。封止膜の材料の例には、窒化シ
リコンや酸化窒化シリコンなどが含まれる。封止膜の好ましい厚さは、２０～５００ｎｍ
である。
【００６５】
　このような構成を有する有機ＥＬディスプレイパネルの画素電極と対向電極との間に電
圧を印加すると、画素電極から正孔が、対向電極から電子が有機層に注入される。注入さ
れた正孔および電子は、有機層の内部で結合し、励起子が発生する。この励起子によって
有機層が発光し、光が発せられる。
【００６６】
　２．本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、本発明の効果を損なわない限り、任意の方法
で製造され得る。
【００６７】
　好ましい製造方法の一例は、
　１）２以上の画素電極およびバス電極が配置された基板を準備する第１ステップと、
　２）基板上に２以上のバンクを形成する第２ステップと、
　３）バンクによって規定された領域内に有機層を形成する第３ステップと、
　４）有機層上に対向電極を形成する第４ステップと、
　を有する。
　以下、それぞれのステップについて説明する。
【００６８】
　１）第１ステップでは、２以上の画素電極およびバス電極が配置された基板を準備する
。画素電極およびバス電極は、例えば、スパッタリングなどによって基板上に形成された
導電体薄膜を、エッチングによりパターニングすることにより形成されてもよい。バス電
極の材料と画素電極の材料とが同じ場合、バス電極と画素電極とは同時に形成されてもよ
い。
【００６９】
　２）第２ステップでは、基板上に２以上のバンクを形成する。上述したように、バンク
には、画素－バス間バンクと画素間バンクが含まれる。基板上にバンクを形成するステッ
プはさらに、ｉ）基板上に感光性樹脂膜を形成するステップｉと、ii）形成された感光性
樹脂膜を露光し、現像してバンクをパターニングするステップiiと、iii）パターニング
されたバンクを焼成して、バンクを基板に固定するステップiiiと、を有する。
【００７０】
　i）ステップｉでは基板上に感光性樹脂膜を形成する。基板上に感光性樹脂膜を形成す
るには、感光性樹脂組成物を、スピンコート、ダイコート、スリットコートなどによって
感光性樹脂組成物を基板上に塗布し、塗布された膜をベークすればよい。ベーク条件は特
に限定されないが、８０～１００℃（例えば１００℃）で２～３分間放置すればよい。
【００７１】
　ii）ステップiiでは、基板上に形成された感光性樹脂膜を露光し、現像してバンクをパ
ターニングする。バンクをパターニングすることで、画素電極およびバス電極を露出させ
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る。露光条件は特に限定されないが、露光量を１００～３００ｍＪ／ｃｍ２（例えば２０
０ｍＪ／ｃｍ２）とし、露光する光を３６５ｎｍがメインピークであるｉ線とすればよい
。感光性樹脂膜を現像するには、露光した感光性樹脂膜を、例えば０．２％ＴＭＡＨ（テ
トラメチルアンモニウムハイドロオキサイド）液に６０秒間浸し、その後純水で６０秒間
すすげばよい。
【００７２】
　iii）ステップiiiでは、パターニングされたバンクを焼成して、バンクを基板に固定す
る。焼成の条件は特に限定されないが、例えば温度は約２００℃以上（例えば２２０℃）
であり、時間は約１時間である。パターニングされたバンクを焼成することで、バンク内
の溶剤および水分が除去され、バンクと基板との密着性が高められ、バンクが基板上に固
定される。また、パターニング直後のバンクは、テーパ角度は約９０°であり、順テーパ
状ではないが（図１１Ｃ参照）、焼成中の熱によってバンクの弾性率が低下し、バンクの
エッジが基板上に広がり、バンクが順テーパ状となる（図１１Ｅ参照）。
【００７３】
　上述のように、本発明は、画素－バス間バンクの濡れ性が画素間バンクの濡れ性よりも
低いこと；または画素－バス間バンクのテーパ角度が画素間バンクのテーパ角度よりも小
さいことを特徴としている。以下、Ａ）画素－バス間バンクの濡れ性を画素間バンクの濡
れ性よりも低くする手段と、Ｂ）画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間バンクのテー
パ角度よりも小さくする手段と、について説明する。
【００７４】
　Ａ）画素－バス間バンクの濡れ性を画素間バンクの濡れ性よりも低くする手段について
（実施の形態１参照）
　画素－バス間バンクの濡れ性を画素間バンクの濡れ性よりも低くするには、例えば、基
板上にバンクを形成した後、画素間バンクのみに活性光線を照射すればよい。画素間バン
クのみに活性光線を照射するには、マスクを用いればよい。照射する活性光線の例には、
紫外線や電子線、放射線、プラズマなどが含まれる。活性光線は、取り扱いの容易さから
、紫外線であることが好ましい。紫外線の例には、波長１７２ｎｍのエキシマーＵＶが含
まれる。照射時間は、通常２～１０秒である。
【００７５】
　図４は、フッ素含有樹脂から形成されたバンクに紫外線（波長１７２ｎｍ）を照射した
ときの、照射時間とバンクの濡れ性（アニソールの接触角の減少量）との関係を示したグ
ラフである。
　図４に示されるように、紫外線の照射時間が長いほど、アニソールの接触角が減少（濡
れ性が向上）する。具体的には、５秒間の紫外線照射によって、バンクの表面におけるア
ニソールの接触角は、約１０°減少する。このように、画素間バンクに紫外線を照射する
ことによって画素間バンクの濡れ性を高めることができる。これにより画素－バス間バン
クの濡れ性を画素間バンクの濡れ性よりも低くすることができる。
【００７６】
　また、紫外線の照射によって、画素電極上のバンクの残渣を除去するという副次的な効
果も得られる。このように画素電極上のバンクの残渣を除去することで有機ＥＬディスプ
レイパネルの発光特性を向上させることができる。
【００７７】
　また、上述のようにフッ素含有樹脂で形成されたバンクの濡れ性は、バンクの高さに依
存することから、バンクの材料をフッ素樹脂とし、画素－バス間バンクを画素間バンクよ
りも高くすることで、画素－バス間バンクの濡れ性を低下させてもよい。画素－バス間バ
ンクを画素間バンクよりも高くするには、ステップiiで、感光性樹脂膜を、透過率の異な
るハーフトーンマスクを介して露光すればよい。
【００７８】
　Ｂ）画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間バンクのテーパ角度よりも小さくする手
段について（実施の形態２参照）
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　画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間バンクのテーパ角度よりも小さくする手段は
特に限定されないが、感光性樹脂膜をネガ型の感光性樹脂膜とし、ステップiiの後、ステ
ップiiiの前に、画素間バンクのみを再度露光すればよい。画素間バンクを再度露光する
ことにより、画素間バンクのガラス転移温度および弾性率が上昇する。再度露光すること
によって、バンクのガラス転移温度および弾性率が上昇するメカニズムは、特に限定され
ないが、ステップiiの露光において十分に光重合および光硬化しなかった樹脂材料が、再
度露光することにより、さらに光重合および光硬化するためである。再度露光する際の、
露光量は特に限定されないが、例えば２００～４００ｍＪ／ｃｍ２であり、約３００ｍＪ
／ｃｍ２であることが好ましい。
【００７９】
　画素バンクのガラス転移温度および弾性率が上昇すると、焼成工程の熱によって画素間
バンクの弾性率が低下せず、画素間バンクのエッジがあまり広がらない。このため、画素
間バンクのテーパ角度は大きくなる。一方で再度露光されていない画素－バス間バンクの
ガラス転移温度および弾性率は低いままであるので、焼成工程の熱によって画素－バス間
バンクの弾性率が低下し、画素－バス間バンクのエッジが広がり、画素－バス間バンクの
テーパ角度が小さくなる（図１１Ｅ参照）。これにより、画素－バス間バンクのテーパ角
度を画素間バンクのテーパ角度よりも小さくすることができる。
【００８０】
　３）第３ステップでは、バンクによって規定された領域内に有機層を形成する。有機層
は、バンクによって規定された領域内に塗布された有機層の材料液を乾燥させることで形
成される。有機層はその後ベーク処理によって固定化されてもよい。
【００８１】
　塗布される有機層の材料液は、有機層の材料および溶媒を含む。溶媒の例には、アニソ
ールやシクロヘキシルベンゼンなどの芳香族系の溶媒が含まれる。有機層の材料液を塗布
する手段の例には、インクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、スピンコート、凹
版印刷および凸版印刷などが含まれる。好ましい塗布手段は、インクジェットである。
【００８２】
　ここで、バンクによって規定された領域内に塗布された有機層の材料液が乾燥する過程
で示す挙動について説明する。図５Ａ～Ｃおよび図６Ａ～Ｅは、材料液が乾燥する過程で
示す基本的な挙動を示す模式図である。
【００８３】
　図５Ａは、有機層の材料液をバンクによって規定された領域内に塗布した直後の状態を
示す模式図である。図５Ａに示されるように、材料液１３０は、基板１０１上に形成され
たバンク１０７の上面まで、かつバンクで区切られた隣接する副画素にあふれないように
塗布される。塗布直後においては、液滴端部１３１における表面張力のつりあいによって
、液滴端部１３１の接触角がθとなる。
【００８４】
　材料液１３０が乾燥し始めると、表面張力のつりあいが保たれている間は、図５Ｂに示
されるように、液滴端部１３１が固定された状態で、溶媒の蒸発により接触角がθから後
退角θＲまで減少する。この乾燥様式は、液滴の径が一定であることから、ＣＣＲ（Cons
tant Contact Radius）モードと称される。
【００８５】
　また、後退角θＲは、材料液の性質（粘度など）や、バンク表面の物性（表面自由エネ
ルギーなど）によって変化する。例えば、バンクの表面の濡れ性が低くなれば、後退角θ

Ｒは大きくなる。
【００８６】
　液滴端部１３１の接触角が後退接触角θＲまで減少すると、液滴端部１３１における表
面張力のつりあいが崩れ、材料液１３０を内部に引き込む力が発生する。その結果、図５
Ｃに示されるように、接触角θＲが固定された状態で、溶媒の蒸発により液滴端部１３１
が内側に向かって移動し、液滴の径が減少する。この乾燥様式は、基板に対する接触角が
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一定であることから、ＣＣＡ（Constant Contact Angle）モードと称される。この液滴の
径の減少は、液滴端部１３１がバンクの角（バンクの上面と壁面との境界線）に到達する
まで続く。
【００８７】
　液滴端部１３１がバンク１０７の角に到達すると、図６Ａに示されるように、接触角の
基準面がバンクの上面からバンクの壁面に変わるため、接触角がθ’に増大する。これに
より、接触角が後退接触角よりも大きくなるため、液滴端部１３１における表面張力は再
びつりあう。その結果、図６Ｂに示されるように、液滴端部１３１はバンク１０７の角に
固定された状態で、溶媒の蒸発により接触角がθ’から後退接触角θＲ’まで減少する（
ＣＣＲモード）。
【００８８】
　接触角が後退接触角θＲ’まで減少すると、図６Ｃに示されるように、接触角θＲ’が
固定された状態で、溶媒の蒸発により液滴端部１３１が移動して、液滴の体積が減少する
（ＣＣＡモード）。
【００８９】
　乾燥により液滴端部１３１近傍の溶質の濃度が臨界濃度に達すると、図６Ｄに示される
ように、材料液１３０がゲル化し、液滴端部１３１は１０７の壁面上に固定される。この
ような液滴端部の位置が決定することを「ピンニング」という。特に、材料液の濃度の上
昇（粘度の上昇）によるピンニングを「セルフピンニング」という。セルフピンニングの
後は、図６Ｅに示されるように、液滴端部１３１が固定された状態で乾燥が進み、有機層
１０９が形成される。
【００９０】
　以上のように、バンクによって規定された領域内では、溶液の乾燥は、ＣＣＲモードと
ＣＣＡモードとを交互に繰り返しながら進行する。
【００９１】
　また、バンクの濡れ性を低くした場合、後退接触角が大きくなる。このため、溶媒が蒸
発すると液滴端部１３１の接触角はすぐに後退接触角に達し、液滴端部１３１が移動して
、液滴の体積が減少する（ＣＣＡモード乾燥）時間が長くなる。ＣＣＡモードで乾燥する
時間が長いと、液滴端部１３１近傍の溶質の濃度が臨界濃度に達するまでに、液滴端部１
３１はバンク１０７の壁面のより下部まで移動することができる。
　この結果、液滴端部１３１がバンク１０７の壁面上に固定される位置の高さ（有機層の
端部の高さ）が低くなる。このようにバンクの濡れ性を低くした場合、濡れ性を低くした
バンクの壁面上の有機層の端部の高さを低くできる。
【００９２】
　また、バンクのテーパ角度を小さくした場合、バンク壁面を基準面としたときに液滴端
部１３１の接触角が小さくなる。このため、溶媒が蒸発すると液滴端部１３１の接触角は
すぐに後退接触角θＲ’に達し、液滴端部１３１が移動して、液滴の体積が減少する（Ｃ
ＣＡモード乾燥）時間が長くなる。ＣＣＡモードで乾燥する時間が長いと、液滴端部１３
１近傍の溶質の濃度が臨界濃度に達するまでに、液滴端部１３１はバンク１０７の壁面の
より下部まで移動する。
　この結果、液滴端部１３１がバンク１０７の壁面上に固定される位置の高さ（有機層の
端部の高さ）が低くなる。このようにバンクのテーパ角度を小さくした場合、テーパ角度
を小さくしたバンクの壁面上の有機層の端部の高さを低くできる。
【００９３】
　従来の有機ＥＬディスプレイパネルでは、画素－バス間バンクと画素間バンクとによっ
て規定された領域に形成された有機層の画素－バス間バンク側の端部が高くなるという問
題があった。これに対し、本発明は、画素－バス間バンクの濡れ性を低くしたり；画素－
バス間バンクのテーパ角度を小さくすることを特徴とする。このため、画素－バス間バン
ク側の有機層の端部の高さを下げることができ、均一な膜厚を有する有機層を形成するこ
とができる。



(16) JP WO2010/140301 A1 2010.12.9

10

20

30

40

50

【００９４】
　４）第４ステップでは、有機層上に対向電極を形成する。対向電極はスパッタリング法
などによって形成されることが好ましい。
【００９５】
　このように本発明によれば、バンクの性状を調節することで、有機層の端部の高さを均
一化して、有機層の膜厚を均一にすることができる。したがって、本発明によれば、発光
特性が優れた有機ＥＬディスプレイパネルを提供することができる。
【００９６】
　以下本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００９７】
　（実施の形態１）
　実施の形態１では、画素－バス間バンクの濡れ性が低い態様について説明する。また、
実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネルは、トップエミッション型である。
【００９８】
　図７は、本発明の実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネル１００の断面の一部拡大
図である。図７に示されるように有機ＥＬディスプレイパネル１００は、基板１０１と、
反射画素電極１０３と、バス電極１０５と、正孔注入層１１１と、正孔輸送層１１３と、
Ｒｅｄ、Ｇｒｅｅｎ、Ｂｌｕｅ三色の有機発光層１１５と、バンク１０７と、対向電極１
１７と、封止膜１１９と、を有する。
【００９９】
　基板１０１は、例えば、ガラス板である。反射画素電極１０３は、例えば、厚さ１００
～２００ｎｍのＡＰＣ合金層である。バス電極１０５は、反射画素電極１０３と同様の材
料からなる。
【０１００】
　正孔注入層１１１は反射画素電極１０３上に配置された厚さ２０～５０ｎｍのタングス
テンオキサイド（ＷＯｘ）からなる層である。
【０１０１】
　正孔輸送層１１３は、正孔注入層１１１上に配置された、ポリアニリンからなる厚さ２
０～１５０ｎｍの層である。
【０１０２】
　有機発光層１１５は、正孔輸送層１１３上に配置された、ポリフルオレンの誘導体から
なる厚さ５０～１５０ｎｍの層である。
【０１０３】
　バンク１０７は、基板１０１上に配置され、正孔輸送層１１３および有機発光層１１５
の領域を規定する。また、バンク１０７は、正孔注入層１１１およびバス電極１０５の一
部を覆うように配置される。
【０１０４】
　バンク１０７には、バス電極１０５と画素電極１０３との間に配置された画素－バス間
バンク１０７ａと、画素電極１０３間に配置される画素間バンク１０７ｂとが含まれる。
本実施の形態では、画素－バス間バンク１０７ａの表面の濡れ性は、画素間バンク１０７
ｂとの表面の濡れ性よりも低い。具体的には、画素－バス間バンク１０７ａの上面におけ
るアニソールの接触角は、４０°以上５５°以下であることが好ましい。一方、画素間バ
ンク１０７ｂの上面におけるアニソールの接触角度は、３０°以上４０°未満であること
が好ましい。
【０１０５】
　このように画素－バス間バンク１０７ａの表面の濡れ性を画素間バンク１０７ｂの表面
の濡れ性よりも低くすることで、有機層（正孔輸送層、有機発光層）の端部の高さを均一
化することができ、膜厚が均一の有機層を得ることができる。
【０１０６】
　対向電極１１７は、例えばＩＴＯである。封止膜１１９は、例えば窒化シリコンからな
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る厚さは、２０～５００ｎｍの層である。
【０１０７】
　次に本実施の形態の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法について説明する。図８Ａ
～Ｄおよび図９Ａ～Ｃは、有機ＥＬディスプレイパネル１００の製造方法の一例を示す模
式図である。
【０１０８】
　図８Ａ～Ｄおよび図９Ａ～Ｃに示されるように、有機ＥＬディスプレイパネル１００の
製造方法は、１）反射画素電極１０３およびバス電極１０５が配置された基板１０１を準
備する第１ステップ（図８Ａ）、２）反射画素電極１０３上に正孔注入層１１１を形成す
る第２ステップ（図８Ｂ）、３）基板１０１上にバンク１０７を形成する第３ステップ（
図８Ｃ）、４）画素間バンク１０７ｂのみに紫外線を照射する第４ステップ（図８Ｄ）、
５）バンク１０７によって規定された領域内の正孔注入層１１１上に正孔輸送層１１３を
形成する第５ステップ（図９Ａ）、６）正孔輸送層１１３上に有機発光層１１５を形成す
る第６ステップ（図９Ｂ）、７）対向電極１１７および封止膜１１９を形成する第７ステ
ップ（図９Ｃ）を有する。
【０１０９】
　１）第１ステップでは、反射画素電極１０３およびバス電極１０５が配置された基板１
０１を準備する。反射画素電極１０３およびバス電極１０５は、例えばスパッタリングな
どにより基板１０１上に形成された導電性膜をエッチングによってパターニングすればよ
い。
【０１１０】
　２）第２ステップでは、反射画素電極１０３上に正孔注入層１１１が、例えばスパッタ
リングによって形成される。
【０１１１】
　３）第３ステップでは、バンク１０７がフォトリソグラフィ法によって形成される。
【０１１２】
　４）第４ステップでは、マスク１２０を介して画素間バンク１０７ｂにのみ紫外線を照
射する。
【０１１３】
　５）第５ステップでは、正孔注入層１１１上に正孔輸送層１１３を形成する。正孔輸送
層１１３は、正孔輸送層１１３の材料液をバンク１０７によって規定された領域内に例え
ばインクジェット法で塗布することで形成される。
【０１１４】
　６）第６ステップでは、正孔輸送層１１３上に有機発光層１１５を形成する。有機発光
層１１５は、有機発光層１１５の材料液をバンク１０７によって規定された領域内に例え
ばインクジェット法で塗布することで形成される。
【０１１５】
　従来の有機ＥＬディスプレイパネルでは、画素－バス間バンクと画素間バンクとによっ
て規定された領域に形成される有機層（正孔輸送層、有機発光層）の画素－バス間バンク
側の端部が高くなるという問題があった（図２Ｅ参照）。しかし本実施の形態では、上述
のように画素－バス間バンク１０７ａの濡れ性を画素間バンク１０７ｂの濡れ性よりも低
くすることで、画素－バス間バンク側の有機層の端部の高さを下げることができる。これ
により、有機層の膜厚を均一にすることができる。
【０１１６】
　７）第７ステップでは、対向電極１１７および封止膜１１９を形成する。対向電極１１
７は、例えば、蒸着法により形成され、封止膜１１９は、例えば、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法により形成される。
【０１１７】
　このように本発明の実施の形態１によれば、画素－バス間バンクの濡れ性を画素間バン
クの濡れ性よりも低くすることで、有機層（正孔輸送層、有機発光層）の端部の高さを均
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一化することができ、膜厚が均一の有機層を得ることができる。また、紫外線の照射によ
って、正孔注入層上のバンクの残渣を除去するという副次的な効果も得られる。画素電極
上のバンクの残渣を除去することで有機ＥＬディスプレイパネルの発光特性を向上させる
ことができる。
【０１１８】
（実施の形態２）
　実施の形態１では、画素－バス間バンクの濡れ性が画素間バンクの濡れ性よりも低い形
態について説明した。実施の形態２では、画素－バス間バンクのテーパ角度が画素間バン
クのテーパ角度よりも小さい例について説明する。
【０１１９】
　図１０Ａは、本発明の実施の形態２の有機ＥＬディスプレイパネル２００の断面の一部
拡大図である。実施の形態２の有機ＥＬディスプレイパネルは、画素－バス間バンクの形
状が異なる以外は、実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネル１００と同じである。有
機ＥＬディスプレイパネル１００と同一の構成要素については、同一の符号を付し、説明
を省略する。
【０１２０】
　図１０Ａに示されるように有機ＥＬディスプレイパネル２００は、画素－バス間バンク
２０７ａと、画素間バンク２０７ｂとを有する。図１０Ｂは、図１０Ａ中の四角Ｘで囲ま
れた領域の拡大図である。図１０Ｂに示されるように画素－バス間バンク２０７ａのテー
パ角度αは、画素間バンク２０７ｂのテーパ角度βよりも小さい。画素－バス間バンク２
０７ａのテーパ角度αは、２０°以上３０°以下であることが好ましく、画素間バンク２
０７ｂのテーパ角度βは、３０°超６０°以下であることが好ましい。
【０１２１】
　このように画素－バス間バンク２０７ａのテーパ角度を画素間バンク２０７ｂのテーパ
角度よりも小さくすることで、有機層（正孔輸送層、有機発光層）の端部の高さを均一化
することができ、膜厚が均一の有機層を得ることができる。
【０１２２】
　次に本実施の形態の有機ＥＬディスプレイパネル２００の製造方法について説明する。
有機ＥＬディスプレイパネル２００の製造方法は、バンクの製造方法が異なる以外は、有
機ＥＬディスプレイパネル１００の製造方法と同じである。したがって、以下、有機ＥＬ
ディスプレイパネル２００の製造方法のうちバンクの製造方法についてのみ説明する。
【０１２３】
　図１１Ａ～図１１Ｅは、有機ＥＬディスプレイパネル２００のバンクの製造方法の一例
を示す模式図である。図１１Ａ～図１１Ｅに示されるように、有機ＥＬディスプレイパネ
ル２００のバンク２０７を製造する方法は、１）基板１０１上にネガ型の感光性樹脂膜１
０６を形成する第１ステップ（図１１Ａ）と、２）感光性樹脂膜１０６を露光し、現像し
てバンク２０７をパターニングする第２ステップ（図１１Ｂ、図１１Ｃ）と、３）画素間
バンク２０７ｂを再度露光する第３ステップ（図１１Ｄ）と、４）バンク２０７を焼成し
て、バンク２０７を基板１０１上に固定する第４ステップ（図１１Ｅ）とを有する。
【０１２４】
　１）第１ステップでは、バス電極１０５、画素電極１０３および正孔注入層１１１が配
置された基板１０１上にネガ型の感光性樹脂膜１０６を形成する。基板１０１上に感光性
樹脂膜１０６を形成するには、感光性樹脂組成物を、スピンコート、ダイコート、スリッ
トコートなどによって感光性樹脂組成物を基板上に塗布し、塗布された膜をベークすれば
よい。
【０１２５】
　２）第２ステップでは、感光性樹脂膜１０６を露光し、現像してバンク２０７をパター
ニングする。バンク２０７をパターニングすることで、正孔注入層１１１およびバス電極
１０５を露出させる。
【０１２６】
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　３）第３ステップでは、画素間バンク２０７ｂを再度露光する。本ステップは、第２ス
テップの後であって、第４ステップの前に行われる。再度露光する際における露光量は、
例えば３００ｍＪ／ｃｍ２である。画素間バンクを再度露光することによって、画素間バ
ンク２０７ｂのガラス転移温度および弾性率が上昇する。
【０１２７】
　４）第４ステップでは、パターニングされたバンク２０７を焼成する。上述のように画
素バンク２０７ｂのガラス転移温度および弾性率は高いので、焼成工程の熱によって画素
間バンク２０７ｂの弾性率が低下せず、画素間バンク２０７ｂのエッジがあまり広がらな
い。このため、画素間バンク２０７ｂのテーパ角度は大きくなる。一方で再度露光されて
いない画素－バス間バンク２０７ａのガラス転移温度および弾性率は低いままであるので
、焼成工程の熱によって画素－バス間バンク２０７ａの弾性率が低下し、画素－バス間バ
ンク２０７ａのエッジが広がり、画素－バス間バンク２０７ａのテーパ角度が小さくなる
。これにより、画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間バンクのテーパ角度よりも小さ
くすることができる。
【０１２８】
　従来の有機ＥＬディスプレイパネルでは、画素－バス間バンクと画素間バンクとによっ
て規定された領域に形成される有機層（正孔輸送層、有機発光層）の画素－バス間バンク
側の端部が高くなるという問題があった（図２Ｅ参照）。しかし本実施の形態では、上述
のように画素－バス間バンク２０７ａのテーパ角度を画素間バンク２０７ｂのテーパ角度
よりも小さくすることで、画素－バス間バンク２０７ａ側の有機層の端部の高さを下げる
ことができる。これにより、有機層の膜厚を均一にすることができる。
【０１２９】
　このように本発明の実施の形態２によれば、画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間
バンクのテーパ角度よりも低くすることで、有機層（正孔輸送層、有機発光層）の端部の
高さを均一化することができ、膜厚が均一の有機層を得ることができる。
【０１３０】
　本出願は、２００９年６月４日出願の特願２００９－１３５３２２に基づく優先権を主
張する。当該出願明細書に記載された内容は、すべて本願明細書に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
　本発明によれば、バス電極を有する場合であっても、有機層の膜厚のばらつきを抑制す
ることができ、発光特性に優れた有機ＥＬディスプレイパネルを提供することができる。
【符号の説明】
【０１３２】
　１００、２００　有機ＥＬディスプレイパネル
　１０１　基板
　１０３　画素電極
　１０５　バス電極
　１０６　感光性樹脂膜
　１０７　バンク
　１０７ａ、２０７ａ　画素－バス間バンク
　１０７ｂ、２０７ｂ　画素間バンク
　１０９　有機層
　１１１　正孔注入層
　１１３　正孔輸送層
　１１５　有機発光層
　１１７　対向電極
　１１９　封止膜
　１２０　マスク
　１３０　材料液
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　１３１　液滴端部
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成22年8月31日(2010.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイパネルおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬディスプレイパネルとは、有機化合物の電界発光を利用した発光素子（有機Ｅ
Ｌ素子）を有するディスプレイパネルである。つまり有機ＥＬディスプレイパネルは、画
素電極と、画素電極上に配置された有機発光層と、有機発光層上に配置された対向電極を
含む有機ＥＬ素子を有する。有機発光層に含まれる有機ＥＬ材料は、低分子有機化合物の
組み合わせ（ホスト材料およびドーパント材料）と、高分子有機化合物とに大別されうる
。高分子有機化合物の例には、ＰＰＶと称されるポリフェニレンビニレンやその誘導体な
どが含まれる。高分子有機化合物を利用した有機ＥＬディスプレイパネルは、比較的低電
圧で駆動でき、消費電力が少なく、ディスプレイパネルの大型化に対応しやすいと言われ
ており、積極的に研究が行なわれている。
【０００３】
　しかし、有機ＥＬ素子を有するディスプレイパネルを大型化すると、配線からの電流が
十分に供給されない領域が生じ、ディスプレイパネルの端部と中央部とで輝度が不均一に
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なることがあった。特に、薄膜トランジスタでそれぞれの有機ＥＬ素子を駆動するアクテ
ィブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイパネルでは、パネル内の各有機ＥＬ素子が一つ
の共通対向電極を共有することから、例えば、パネルの中央部の画素からグランド電極ま
での距離と、パネルの端部の画素からグランド電極までの距離とが異なる。このように画
素からグランド電極までの距離が画素の位置によって変動すると、配線抵抗も画素の位置
によって変動する。これにより対向電極に流れる電流の量が不均一になりやすい。このた
め、特にアクティブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイパネルでは、輝度のばらつきが
顕著になるという問題があった。
【０００４】
　このような問題を解決するために、高い導電性を有し、対向電極と電気的に接続された
バス電極を形成する手法が知られている（例えば特許文献１～７参照）。
【０００５】
　図１は、特許文献１に開示された有機ＥＬデバイスの断面図である。図１に示されるよ
うに、特許文献１に開示された有機ＥＬデバイスは、絶縁基板１１上に配置された画素電
極１３、画素電極１３上に配置された有機層１５、有機層１５上に配置された対向電極１
７および絶縁基板１１上に配置されたバス電極１９を有する。バス電極１９は対向電極１
７と接続される。
【０００６】
　図１に示された有機ＥＬデバイスでは、バス電極１９が対向電極１７に電気的に接続さ
れているため、仮に対向電極１７の抵抗が高かったとしても、対向電極１７に流れる電流
の量を一定にすることができ、有機ＥＬディスプレイパネル内で、輝度がばらつくことを
防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－１１１３６９号公報
【特許文献２】特開２００６－１１３３７６号公報
【特許文献３】特開２００７－１０３１２６号公報
【特許文献４】特開２００５－０３１６４５号公報
【特許文献５】米国特許出願公開第２００６／００８２２８４号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２００５／００５１７７６号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００４／０１０８８１０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、図１に示されたような対向電極と接続するバス電極を有する有機ＥＬディスプ
レイパネルでは、有機層をインクジェットなどの塗布法で形成する場合、有機層の膜厚が
不均一になるという問題があった。有機層の膜厚が不均一になると、有機ＥＬディスプレ
イパネルの輝度がばらつくだけでなく、有機ＥＬディスプレイパネルの寿命も縮まる。
【０００９】
　以下図２Ａ～Ｄを参照し、バス電極を設けることと、塗布法で形成される有機層の膜厚
が不均一になることとの関係について説明する。
【００１０】
　図２Ａは、有機層が形成される前の有機ＥＬディスプレイパネルの断面の一部拡大図で
ある。図２Ａに示された有機ＥＬディスプレイパネルは、基板１０１上に配列された画素
電極１０３Ｒ、１０３Ｇ、１０３Ｂと、バス電極１０５と、バンク１０７とを有する。バ
ンク１０７には、バス電極１０５と画素電極１０３との間に配置されたバンク（以下「画
素－バス間バンク」とも称する）１０７ａと、画素電極間に配置されたバンク（以下「画
素間バンク」とも称する）１０７ｂとが含まれる。
【００１１】
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　画素電極１０３Ｒ上には赤色光を発光する有機層（有機発光層）が配置され；１０３Ｇ
上には緑色光を発光する有機層が配置され；１０３Ｂ上には青色光を発光する有機層が配
置される（図２Ｄ参照）。バス電極１０５は、通常、ＲＧＢの三色の副画素からなる１つ
の画素を挟むように配置される。
【００１２】
　図２Ｂは、バンク１０７によって規定された領域内の画素電極１０３上に、有機層の材
料液１３０を塗布した様子を示す。このときバス電極１０５上には、有機層の材料液１３
０が存在しないため、画素－バス間バンク１０７ａの近傍では材料液１３０の溶媒の蒸気
濃度が低くなる。
【００１３】
　図２Ｃは、バンク１０７によって規定された領域内の有機層の材料液１３０が乾燥する
様子を示す。上述のように、バス電極１０５の近傍では溶媒の蒸気濃度が低いので、有機
層の材料液の乾燥が促進される。塗布された材料液は、乾燥速度の速い方へ対流するため
、画素電極１０３Ｒ上に塗布された有機層の材料液は、画素－バス間バンク１０７ａ側に
引き寄せられる。同様に、画素電極１０３Ｂ上に塗布された有機層の材料液１３０も、画
素－バス間バンク１０７ａ側に引き寄せられる。
【００１４】
　その結果、図２Ｄに示されるように、画素－バス間バンク１０７ａと画素間バンク１０
７ｂとに規定された領域内に形成された有機層（１０９Ｒおよび１０９Ｂ）の端部の高さ
がばらつくことがあった。図２Ｅは、図２Ｄに示された有機層１０９Ｒの拡大図を示す。
図２Ｅに示されるように、画素－バス間バンク１０７ａ側の有機層１０９Ｒの端部１０９
Ｅは、画素間バンク１０７ｂ側の有機層１０９Ｒの端部１０９Ｅ’よりも高い。
【００１５】
　有機層の端部の高さがばらつくと、有機層の膜厚が不均一になる。図３は、図２Ｄに示
された有機ＥＬディスプレイパネルの有機層の膜厚分布を示す。図３に示されるように、
画素－バス間バンク１０７ａと画素間バンク１０７ｂとに規定された領域内に形成された
有機層１０９Ｒおよび１０９Ｂの膜厚は、画素－バス間バンク１０７ａ側で厚くなり、画
素間バンク１０７ｂ側では薄くなる。このようにバス電極を配置した場合、有機層の端部
の高さがばらつき、有機層の膜厚が不均一になることがあった。
【００１６】
　本発明の目的は、バス電極を設ける場合であっても、膜厚が均一の有機層を有する有機
ＥＬディスプレイパネルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明者は、バス電極と画素電極との間に配置されたバンクの性状と、画素電極間に配
置されたバンクの性状とを調節することで、有機層の端部の高さを均一化して、有機層の
膜厚を均一にできることを見出し、さらに検討を加え、発明を完成させた。
【００１８】
　すなわち、本発明の第１は、以下に示す有機ＥＬディスプレイパネルに関する。
　［１］基板と、前記基板上に配列された２以上の画素電極と、少なくとも一つの前記画
素電極の隣に位置し、前記基板上に配置されたバス電極と、前記画素電極上に配置された
有機層と、前記基板上に配置され、前記有機層の配置領域を規定する２以上のバンクと、
前記有機層上に配置され、前記バス電極と接続された対向電極と、を有する有機ＥＬディ
スプレイパネルであって、前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間
に配置されたバンクと、前記画素電極間に配置されたバンクとが、含まれ、前記バス電極
と前記画素電極との間に配置されたバンクの表面の濡れ性は、前記画素電極間に配置され
たバンクの濡れ性よりも低い、有機ＥＬディスプレイパネル。
【００１９】
　本発明の第２は、以下に示す、有機ＥＬディスプレイパネルに関する。
　［２］基板と、前記基板上に配列された２以上の画素電極と、少なくとも一つの前記画
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素電極の隣に位置し、前記基板上に配置されたバス電極と、前記画素電極上に配置された
有機層と、前記基板上に配置され、前記有機層の配置領域を規定する２以上のバンクと、
前記有機層上に配置され、前記バス電極と接続された対向電極と、を有する有機ＥＬディ
スプレイパネルであって、前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間
に配置されたバンクと、前記画素電極間に配置されたバンクと、が含まれ、前記バス電極
と前記画素電極との間に配置されたバンクの前記画素電極側のテーパ角度は、前記画素電
極間に配置されたバンクのテーパ角度よりも小さい、有機ＥＬディスプレイパネル。
【００２０】
　本発明の第３は、以下に示す、有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法に関する。
　［３］２以上の画素電極と、少なくとも一つの前記画素電極の隣に位置するバス電極と
、が配置された基板を準備するステップと；前記基板上に感光性樹脂膜を形成するステッ
プと；前記感光性樹脂膜を露光し、現像して、２以上のバンクをパターニングするステッ
プであって、前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間に配置された
バンクと、前記画素電極間に配置されたバンクと、が含まれ；前記２以上のバンクを焼成
して、前記２以上のバンクを前記基板上に固定するステップと；前記焼成後、前記画素電
極間に配置されたバンクのみに選択的に活性光線を照射するステップと；前記２以上のバ
ンクによって規定された領域内の前記画素電極上に有機層の材料を含むインクを塗布して
、有機層を形成するステップと；を有する有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【００２１】
　本発明の第４は、以下に示す、有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法に関する。
　［４］２以上の画素電極と、少なくとも一つの前記画素電極の隣に位置するバス電極と
、が配置された基板を準備するステップと；前記基板上にネガ型の感光性樹脂膜を形成す
るステップと；前記感光性樹脂膜を露光し、現像して、２以上のバンクをパターニングす
るステップであって、前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間に配
置されたバンクと、前記画素電極間に配置されたバンクと、が含まれ；前記現像後、前記
画素電極間に配置されたバンクのみを再度露光するステップと；前記２以上のバンクを焼
成して、前記２以上のバンクを前記基板上に固定するステップと；前記２以上のバンクに
よって規定された領域内の前記画素電極上に有機層の材料を含むインクを塗布して、有機
層を形成するステップと；を有する有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、バス電極を設ける場合であっても、有機層の端部の高さを均一化して
、有機層の膜厚を均一化することができる。したがって、本発明によれば、有機層の膜厚
のばらつきが少なく、発光特性に優れた有機ＥＬディスプレイパネルを提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】従来の有機ＥＬディスプレイパネルに含まれる有機ＥＬ素子の断面図
【図２】画素を挟むようにバス電極を配置したときの有機層の挙動を示す図
【図３】有機層の膜厚分布を示すグラフ
【図４】紫外線照射時間とバンク上面におけるアニソールの接触角との関係を示すグラフ
【図５】乾燥過程における材料液の挙動を示す模式図
【図６】乾燥過程における材料液の挙動を示す模式図
【図７】実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネルの断面図
【図８】実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法を示す図
【図９】実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法を示す図
【図１０】実施の形態２の有機ＥＬディスプレイパネルの断面図
【図１１】実施の形態２の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２４】
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　１．本発明の有機ＥＬディスプレイパネル
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、基板上にマトリクス状に配置された有機ＥＬ
素子を有する。各有機ＥＬ素子は、画素電極と、画素電極上に配置された有機層と、有機
層上に配置された対向電極とを有する。本発明では有機層は塗布法で形成される。
　より具体的には、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、１）基板、２）２以上の画
素電極、３）バス電極、４）２以上のバンク、５）２以上の有機層、および６）対向電極
を有する。後述するように本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、バンクの性状に特徴
を有する。
【００２５】
　本発明は、対向電極と接続されたバス電極近傍の有機層の膜厚のばらつきを抑制するこ
とを目的とする。したがって、本発明は、バス電極が必要になるアクティブマトリクス型
有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、特に有効である。以下本発明の有機ＥＬディスプ
レイパネルのそれぞれの構成要件について説明する。
【００２６】
　１）基板
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの基板は、ボトムエミッション型か、トップエミ
ッション型かによって、その材料が異なる。例えば、ボトムエミッション型の場合は、基
板が透明であることが求められる。このような基板の材料の例には、ガラスや透明樹脂な
どが含まれる。一方、トップエミッション型の場合は、基板が透明である必要はない。こ
の場合、基板は絶縁体であればよい。
【００２７】
　また、基板は、有機ＥＬ素子を駆動するための薄膜トランジスタ（駆動ＴＦＴ）を有し
てもよい。ＴＦＴのソース電極またはドレイン電極は、後述する画素電極に接続される。
また、有機ＥＬ素子は、ＴＦＴデバイスのソース電極またはドレイン電極と同一平面に配
置されてもよい。もちろん、有機ＥＬ素子は、ＴＦＴデバイス上に積層して配置されてい
てもよい。
【００２８】
　２）画素電極
　画素電極は基板上に配置された導電性部材である。本発明の有機ＥＬディスプレイパネ
ルでは、２以上の画素電極がマトリクス状に配列される。画素電極は、通常陽極として機
能するが陰極として機能してもよい。
　ボトムエミッション型有機ＥＬディスプレイパネルでは、画素電極が透明であることが
求められる。このような画素電極の材料の例には、ＩＴＯ（酸化インジウム・スズ）やＩ
ＺＯ（酸化インジウム・亜鉛）、ＺｎＯ（酸化亜鉛）などが含まれる。
　トップエミッション型有機ＥＬディスプレイパネルでは、画素電極に光反射性が求めら
れる。このような画素電極の材料の例には、銀を含む合金、より具体的には銀－パラジウ
ム－銅合金（ＡＰＣとも称する）や銀－ルテニウム－金合金（ＡＲＡとも称する）、Ｍｏ
Ｃｒ（モリブデンクロム）、ＮｉＣｒ（ニッケルクロム）、アルミニウム－ネオジム合金
（Ａｌ－Ｎｄとも称する）、アルミニウム－ネオジム合金（Ａｌ－Ｎｄとも称する）など
のアルミニウム系合金などが含まれる。また反射性の画素電極の表面には、ＩＴＯ膜また
はＩＺＯ膜が配置されていてもよい。画素電極の厚さは、通常、１００～５００ｎｍであ
り、約１５０ｎｍでありうる。
【００２９】
　また、画素電極上には正孔注入層が配置されていてもよい。正孔注入層は、画素電極か
ら後述する有機層への正孔の注入を補助する機能を有する層である。このため、正孔注入
層は画素電極と有機層との間に配置される。
【００３０】
　正孔注入層の材料の例には、ポリスチレンスルホン酸をドープしたポリ（３，４－エチ
レンジオキシチオフェン）（ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳと称される）や遷移金属の酸化物などが
含まれるが、正孔注入層の材料は、遷移金属の酸化物であることが好ましい。ＰＥＤＯＴ
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からなる正孔注入層は塗布法で形成されることから、正孔注入層の膜厚が均一になりにく
い。またＰＥＤＯＴは導電性であるため、有機ＥＬ素子がショートするおそれが高い。一
方、遷移金属の酸化物からなる正孔注入層は、スパッタリングで形成されることから、均
一な膜厚を有する。
【００３１】
　遷移金属の例には、タングステンやモリブデン、チタン、バナジウム、ルテニウム、マ
ンガン、クロム、ニッケル、イリジウムおよびこれらの組み合わせなどが含まれる。好ま
しい正孔注入層の材料は、酸化タングステン（ＷＯｘ）または酸化モリブデン（ＭｏＯｘ
）である。正孔注入層の厚さは、通常、１０ｎｍ～１００ｎｍであり、約３０ｎｍであり
うる。また、画素電極から有機層への効率的に正孔の注入ができるのであれば、正孔注入
層は省略されてもよい。
【００３２】
　３）バス電極
　バス電極は、配線抵抗のばらつきを補正するための導電性部材である。バス電極によっ
てパネル内の各画素に均一な電圧を印加することができる。バス電極は基板上に配置され
る。バス電極は、後述対向電極と電気的に接続されている。バス電極は、少なくとも一つ
の画素電極の隣に配置される。バス電極と画素電極とは、後述するバンクによって絶縁さ
れている。バス電極の材料は画素電極の材料と同じであってもよいし、異なってもよい。
【００３３】
　４）バンク
　バンクは後述する有機層の配置領域を規定する隔壁である。また、バンクは、基板上に
配置される。バンクには、バス電極と画素電極との間に配置されたバンク（以下「画素－
バス間バンク」とも称する）と、画素電極間に配置されたバンク（以下「画素間バンク」
とも称する）とが含まれる。本発明は、画素－バス間バンクの性状と画素間バンクの性状
とが異なることを特徴とする。画素－バス間バンクおよび画素間バンクの性状については
後述する。
【００３４】
　バンクの基板の表面からの高さは０．１～３μｍであることが好ましく、０．８μｍ～
１．２μｍであることが特に好ましい。バンクの高さが３μｍ超であった場合、後述する
全ての有機ＥＬ素子が共有する一つの対向電極がバンクによって分断される恐れがある。
また、バンクの高さが０．１μｍ未満であった場合、バンクによって規定された領域内に
塗布されたインクがバンクから漏れ出すおそれがある。
【００３５】
　また、バンクの形状は順テーパ状であることが好ましい。順テーパ状とは、バンクの壁
面が斜めになっており、バンクの底面の面積がバンクの上面の面積よりも大きい形状を意
味する。バンクの形状がテーパ状である場合、テーパ角度は２０～８０°であり、特に３
０°～５０°であることが好ましい。バンクのテーパ角度が８０°超であった場合、後述
する全ての有機ＥＬ素子が共有する一つの対向電極がバンクによって分断される恐れがあ
る。
【００３６】
　バンクの材料は樹脂であれば特に限定されないが、フッ素含有樹脂を含むことが好まし
い。フッ素含有樹脂に含まれるフッ素化合物の例には、フッ化ビニリデン、フッ化ビニル
、三フッ化エチレン、およびこれらの共重合体等のフッ化樹脂などが含まれる。またフッ
素含有樹脂に含まれる樹脂の例には、フェノール－ノボラック樹脂、ポリビニルフェノー
ル樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂およびこれらの組み合わせが含まれる。
【００３７】
　フッ素含有樹脂のさらに具体的な例には、例えば特表２００２－５４３４６９号公報に
記載されているフッ素含有ポリマー（フルオロエチレン）とビニルエーテルとの共重合体
であるルミフロン（ＬＵＭＩＦＬＯＮ、登録商標、旭硝子）などが含まれる。
【００３８】
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　本発明におけるバンクは、バンク上面の濡れ性が低いことを特徴とする。ここで「バン
クの上面」とはバンクの頂点を含む面を意味する。バンクの上面の濡れ性を低くすること
で、塗布法で形成される有機層の材料液を規定するというバンク本来の機能が確保される
。バンクの上面における水の接触角は８０°以上、好ましくは９０°以上であり；バンク
上面におけるアニソールとの接触角は、３０°～７０°であることが好ましい。水および
アニソールの接触角は協和界面科学製の自動液晶ガラス洗浄・処理検査装置を用いて測定
されうる。
【００３９】
　また、バンクの壁面の濡れ性は、バンクの上面の濡れ性よりも高いことが好ましい。こ
こで「バンクの壁面」とは、後述する有機層と接する面を含む面を意味する。バンクの壁
面の濡れ性を高くすることで、後述する有機層の材料液がバンク壁面と馴染み、バンクに
よって規定された領域内に均一に濡れ広がることができる。バンクの壁面におけるアニソ
ールの接触角は、３°～３０°であることが好ましい。
【００４０】
　このように上面の濡れ性が低く、壁面の濡れ性が高いバンクは、所望の形状にパターニ
ングされたフッ素含有樹脂の膜を、ベーク処理（焼成処理）することにより形成されうる
。
【００４１】
　表１はベーク処理されたフッ素含有樹脂の厚さ（高さ）とフッ素含有樹脂膜の表面の濡
れ性との関係を示した表である。フッ素含有樹脂膜の表面の濡れ性は、水およびアニソー
ルの接触角で示される。水またはアニソールの接触角が大きくなればなるほど濡れ性が低
いことを意味する。水およびアニソールの接触角は協和界面科学製の自動液晶ガラス洗浄
・処理検査装置で測定された。
【００４２】
　また、表１はベーク処理されたフッ素含有樹脂の厚さ（高さ）と、フッ素含有樹脂膜の
表面のフッ素濃度との関係を示した表でもある。フッ素原子濃度は、Ｘ線光電子分光分析
装置（ＰＨＩ　Ｑｕａｎｔｅｒａ　ＳＸＭ（ＵＬＶＡＣ　ＰＨＩ社製））で測定された。
【００４３】

【表１】

【００４４】
　表１に示されるように、フッ素含有樹脂膜が厚く（高く）なればなるほど、フッ素含有
樹脂膜の表面におけるフッ素濃度は高くなる。フッ素成分は撥液性を有することから、フ
ッ素濃度が高くなればなるほど、水の接触角およびアニソールの接触角も大きくなる（濡
れ性が低くなる）。
【００４５】
　このため、フッ素含有樹脂で形成したバンクでは、上面の濡れ性が最も低くなり、壁面
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下部の濡れ性が高くなる。
【００４６】
　また、バンクの濡れ性を調節するには、バンクをフッ素ガスでプラズマ処理してもよい
。フッ素ガスによるプラズマ処理でバンクの濡れ性を調節する場合、バンクの材料は、ポ
リイミドまたはアクリル樹脂であることが好ましい。特にポリイミドは吸水性が低いこと
からバンクの材料として好ましい。
【００４７】
　画素－バス間バンクおよび画素間バンクの性状について
　上述したように本発明は、画素－バス間バンクの性状と、画素間バンクの性状とが異な
ることを特徴とする。ここで「バンクの性状」とは、バンクの表面の濡れ性やバンクのテ
ーパ角度などを意味する。すなわち画素－バス間バンクと画素間バンクとは、濡れ性およ
びテーパ角度のいずれか一方で異なっていてもよいし、両方で異なっていてもよい。以下
異なる性状がｉ）濡れ性である場合と、ii）バンクのテーパ角度である場合とに分けて、
画素－バス間バンクおよび画素間バンクの性状について説明する。
【００４８】
　ｉ）濡れ性が異なる場合
　この場合、画素－バス間バンクの表面の濡れ性は、画素間バンクの表面の濡れ性よりも
低いことが好ましい。より具体的には、画素－バス間バンクの上面におけるアニソールの
接触角は、４０°以上５５°以下であることが好ましく；一方、画素間バンクの上面にお
けるアニソールの接触角度は、３０°以上４０°未満であることが好ましい。また画素－
バス間バンクの壁面の濡れ性は、画素間バンクの壁面の濡れ性よりも低いことが好ましい
。画素－バス間バンクの濡れ性を画素間バンクの濡れ性よりも低くすることで、画素－バ
ス間バンクと画素間バンクとによって規定された領域内に形成された有機層の端部の高さ
を均一にすることができ、有機層の膜厚を均一にすることができる（実施の形態１参照）
。
【００４９】
　画素－バス間バンクの濡れ性を画素間バンクの濡れ性よりも低くするには、例えば、画
素間バンクのみに活性光線を照射し、画素間バンクの濡れ性を向上させてもよい。
【００５０】
　また、上述のようにフッ素含有樹脂で形成されたバンクの濡れ性は、バンクの高さに依
存することから、画素－バス間バンクを画素間バンクよりも高くすることで、画素－バス
間バンクの濡れ性を低下させてもよい。
【００５１】
　ii）テーパ角度が異なる場合
　この場合画素－バス間バンクの画素電極側のテーパ角度（以下、単に「画素－バス間バ
ンクのテーパ角度」とも称する）は、画素間バンクのテーパ角度よりも小さいことが好ま
しい。より具体的には、画素－バス間バンクのテーパ角度が２０°以上３０°以下である
ことが好ましく、画素間バンクのテーパ角度が３０°超６０°以下であることが好ましい
。画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間バンクのテーパ角度よりも小さくすることで
、画素－バス間バンクと画素間バンクとによって規定された領域内に形成された有機層の
端部の高さを均一にすることができ、有機層の膜厚を均一にすることができる（実施の形
態２参照）。
【００５２】
　画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間バンクのテーパ角度よりも小さくするには、
例えば、後述するように、バンクのパターニング後、画素間バンクのみを再度露光すれば
よい（図１１参照）。
【００５３】
　５）有機層
　有機層は、少なくとも有機発光層を含み、画素電極上に配置された層である。有機層は
、バンクによって規定される領域に有機層の材料液を塗布することで形成される。有機層
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の材料液（有機層の材料をアニソールやシクロヘキシルベンゼンなどの有機溶媒に溶解し
たインク）を、インクジェットなどの塗布法によって塗布することによって、容易かつ他
の材料に損傷を与えることなく有機層を形成することができる。
【００５４】
　従来のバス電極を有する有機ＥＬディスプレイパネルでは、画素－バス間バンクと画素
間バンクとによって規定された領域に形成される有機層の端部の高さがばらつくという問
題があった（図２Ｅ参照）。しかし本発明では、上述のように画素－バス間バンクおよび
画素間バンクの性状を調節することで、画素－バス間バンクと画素間バンクとによって規
定された領域に形成される有機層の端部の高さが均一化され、有機層の膜厚が均一である
という特徴を有する。ここで「有機層の端部」とは、有機層の対向電極側の表面の端部を
意味する。
【００５５】
　有機発光層に含まれる有機ＥＬ材料は、塗布法で有機発光層を形成できるのであれば、
高分子であっても、低分子であってもよい。
【００５６】
　低分子系有機ＥＬ材料は、ドーパント材料とホスト材料との組み合わせを含む。ドーパ
ント材料の例にはＢＣｚＶＢｉ（４，７－ジフェニル－１，１０－フェナントロリン）、
クマリン、ルブレン、ＤＣＪＴＢ（［２－ｔｅｒｔ－ブチル－６－［２－（２，３，６，
７－テトラヒドロ－１，１，７，７－テトラメチル－１Ｈ，５Ｈ－ベンゾ［ｉｊ］キノリ
ジン－９－イル）ビニル］－４Ｈ－ピラン－４－イリデン］マロノニトリル）などが含ま
れ、ホスト材料の例には、ＤＰＶＢｉ（４，４’－ビス（２，２－ジフェニルエテニル）
ビフェニル）、Ａｌｑ３（トリス（８－キノリノラト）アルミニウム）などが含まれる。
【００５７】
　高分子有機ＥＬ材料の例には、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリアセチ
レン（Ｐｏｌｙ　ａｃｅｔｙｌｅｎｅ）およびその誘導体、ポリフェニレン（Ｐｏｌｙ　
ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ）およびその誘導体、ポリパラフェニレンエチレン（Ｐｏｌｙ　ｐａ
ｒａ　ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ）およびその誘導体、ポリ３－ヘキシルチ
オフェン（Ｐｏｌｙ　３－ｈｅｘｙｌ　ｔｈｉｏｐｈｅｎｅ（Ｐ３ＨＴ））およびその誘
導体、ポリフルオレン（Ｐｏｌｙ　ｆｌｕｏｒｅｎｅ　（ＰＦ））およびその誘導体など
が含まれる。高分子有機ＥＬ材料を含む有機発光層は、塗布法により形成しやすいことか
ら、有機発光層に含まれる有機ＥＬ材料は、高分子有機ＥＬ材料であることが好ましい。
【００５８】
　一方、低分子有機ＥＬ材料の例には、トリス（８－キノリノラート）アルミニウムなど
が含まれる。
【００５９】
　有機ＥＬ材料は各副画素から所望の発色（レッドＲ、グリーンＧ、ブルーＢ）が生じる
ように、適宜選択される。例えば、レッド副画素の隣にグリーン副画素を配置し、グリー
ン副画素の隣にブルー副画素を配置し、ブルー副画素の隣にレッド副画素を配置する。ま
た、有機層の厚さは約５０～１５０ｎｍ（例えば６０ｎｍ）であることが好ましい。
【００６０】
　有機層は、さらに正孔輸送層（インターレイヤー）、電子輸送層などを有していてもよ
い。正孔輸送層は、画素電極または正孔注入層への電子の侵入をブロックする役割や、有
機発光層に正孔を効率よく運ぶ役割などを有し、例えばポリアニリン系の材料からなる層
である。したがって、正孔輸送層は、画素電極または正孔注入層と有機発光層との間に配
置される。正孔輸送層の厚さは通常、５ｎｍ以上１００ｎｍ以下であり、好ましくは１０
ｎｍ以上５０ｎｍ以下（例えば約２０ｎｍ）である。また、有機発光層へ効率的に正孔を
輸送できるのであれば、正孔輸送層は省略されてもよい。
【００６１】
　６）対向電極
　対向電極は有機層上に配置される導電性部材である。対向電極は通常陰極として機能す
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る。対向電極の材料は、有機ＥＬディスプレイパネルがボトムエミッション型か、トップ
エミッション型かによって異なる。トップエミッション型の場合には、対向電極が透明で
ある必要があるので、対向電極の材料の例にはＩＴＯやＩＺＯなどが含まれる。さらに、
トップエミッション型の場合、有機層と対向電極との間に有機バッファー層を配置しても
よい。
【００６２】
　一方、ボトムエミッション型の場合には対向電極が透明である必要はない。したがって
対向電極の材料は、導電性であれば任意である。このような対向電極の材料の例には、バ
リウム（Ｂａ）や酸化バリウム（ＢａＯ）、アルミニウム（Ａｌ）などが含まれる。
【００６３】
　対向電極は通常、スパッタリングにより形成される。また、有機ＥＬディスプレイパネ
ルに含まれる全ての有機ＥＬ素子は、１の対向電極を共有してもよい。
【００６４】
　対向電極上には、さらに封止膜が配置されていてもよい。封止膜は、有機層や画素電極
などを水分や熱、衝撃などから保護するための膜である。封止膜の材料の例には、窒化シ
リコンや酸化窒化シリコンなどが含まれる。封止膜の好ましい厚さは、２０～５００ｎｍ
である。
【００６５】
　このような構成を有する有機ＥＬディスプレイパネルの画素電極と対向電極との間に電
圧を印加すると、画素電極から正孔が、対向電極から電子が有機層に注入される。注入さ
れた正孔および電子は、有機層の内部で結合し、励起子が発生する。この励起子によって
有機層が発光し、光が発せられる。
【００６６】
　２．本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、本発明の効果を損なわない限り、任意の方法
で製造され得る。
【００６７】
　好ましい製造方法の一例は、
　１）２以上の画素電極およびバス電極が配置された基板を準備する第１ステップと、
　２）基板上に２以上のバンクを形成する第２ステップと、
　３）バンクによって規定された領域内に有機層を形成する第３ステップと、
　４）有機層上に対向電極を形成する第４ステップと、
　を有する。
　以下、それぞれのステップについて説明する。
【００６８】
　１）第１ステップでは、２以上の画素電極およびバス電極が配置された基板を準備する
。画素電極およびバス電極は、例えば、スパッタリングなどによって基板上に形成された
導電体薄膜を、エッチングによりパターニングすることにより形成されてもよい。バス電
極の材料と画素電極の材料とが同じ場合、バス電極と画素電極とは同時に形成されてもよ
い。
【００６９】
　２）第２ステップでは、基板上に２以上のバンクを形成する。上述したように、バンク
には、画素－バス間バンクと画素間バンクが含まれる。基板上にバンクを形成するステッ
プはさらに、ｉ）基板上に感光性樹脂膜を形成するステップｉと、ii）形成された感光性
樹脂膜を露光し、現像してバンクをパターニングするステップiiと、iii）パターニング
されたバンクを焼成して、バンクを基板に固定するステップiiiと、を有する。
【００７０】
　i）ステップｉでは基板上に感光性樹脂膜を形成する。基板上に感光性樹脂膜を形成す
るには、感光性樹脂組成物を、スピンコート、ダイコート、スリットコートなどによって
感光性樹脂組成物を基板上に塗布し、塗布された膜をベークすればよい。ベーク条件は特
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に限定されないが、８０～１００℃（例えば１００℃）で２～３分間放置すればよい。
【００７１】
　ii）ステップiiでは、基板上に形成された感光性樹脂膜を露光し、現像してバンクをパ
ターニングする。バンクをパターニングすることで、画素電極およびバス電極を露出させ
る。露光条件は特に限定されないが、露光量を１００～３００ｍＪ／ｃｍ２（例えば２０
０ｍＪ／ｃｍ２）とし、露光する光を３６５ｎｍがメインピークであるｉ線とすればよい
。感光性樹脂膜を現像するには、露光した感光性樹脂膜を、例えば０．２％ＴＭＡＨ（テ
トラメチルアンモニウムハイドロオキサイド）液に６０秒間浸し、その後純水で６０秒間
すすげばよい。
【００７２】
　iii）ステップiiiでは、パターニングされたバンクを焼成して、バンクを基板に固定す
る。焼成の条件は特に限定されないが、例えば温度は約２００℃以上（例えば２２０℃）
であり、時間は約１時間である。パターニングされたバンクを焼成することで、バンク内
の溶剤および水分が除去され、バンクと基板との密着性が高められ、バンクが基板上に固
定される。また、パターニング直後のバンクは、テーパ角度は約９０°であり、順テーパ
状ではないが（図１１Ｃ参照）、焼成中の熱によってバンクの弾性率が低下し、バンクの
エッジが基板上に広がり、バンクが順テーパ状となる（図１１Ｅ参照）。
【００７３】
　上述のように、本発明は、画素－バス間バンクの濡れ性が画素間バンクの濡れ性よりも
低いこと；または画素－バス間バンクのテーパ角度が画素間バンクのテーパ角度よりも小
さいことを特徴としている。以下、Ａ）画素－バス間バンクの濡れ性を画素間バンクの濡
れ性よりも低くする手段と、Ｂ）画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間バンクのテー
パ角度よりも小さくする手段と、について説明する。
【００７４】
　Ａ）画素－バス間バンクの濡れ性を画素間バンクの濡れ性よりも低くする手段について
（実施の形態１参照）
　画素－バス間バンクの濡れ性を画素間バンクの濡れ性よりも低くするには、例えば、基
板上にバンクを形成した後、画素間バンクのみに活性光線を照射すればよい。画素間バン
クのみに活性光線を照射するには、マスクを用いればよい。照射する活性光線の例には、
紫外線や電子線、放射線、プラズマなどが含まれる。活性光線は、取り扱いの容易さから
、紫外線であることが好ましい。紫外線の例には、波長１７２ｎｍのエキシマーＵＶが含
まれる。照射時間は、通常２～１０秒である。
【００７５】
　図４は、フッ素含有樹脂から形成されたバンクに紫外線（波長１７２ｎｍ）を照射した
ときの、照射時間とバンクの濡れ性（アニソールの接触角の減少量）との関係を示したグ
ラフである。
　図４に示されるように、紫外線の照射時間が長いほど、アニソールの接触角が減少（濡
れ性が向上）する。具体的には、５秒間の紫外線照射によって、バンクの表面におけるア
ニソールの接触角は、約１０°減少する。このように、画素間バンクに紫外線を照射する
ことによって画素間バンクの濡れ性を高めることができる。これにより画素－バス間バン
クの濡れ性を画素間バンクの濡れ性よりも低くすることができる。
【００７６】
　また、紫外線の照射によって、画素電極上のバンクの残渣を除去するという副次的な効
果も得られる。このように画素電極上のバンクの残渣を除去することで有機ＥＬディスプ
レイパネルの発光特性を向上させることができる。
【００７７】
　また、上述のようにフッ素含有樹脂で形成されたバンクの濡れ性は、バンクの高さに依
存することから、バンクの材料をフッ素樹脂とし、画素－バス間バンクを画素間バンクよ
りも高くすることで、画素－バス間バンクの濡れ性を低下させてもよい。画素－バス間バ
ンクを画素間バンクよりも高くするには、ステップiiで、感光性樹脂膜を、透過率の異な
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るハーフトーンマスクを介して露光すればよい。
【００７８】
　Ｂ）画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間バンクのテーパ角度よりも小さくする手
段について（実施の形態２参照）
　画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間バンクのテーパ角度よりも小さくする手段は
特に限定されないが、感光性樹脂膜をネガ型の感光性樹脂膜とし、ステップiiの後、ステ
ップiiiの前に、画素間バンクのみを再度露光すればよい。画素間バンクを再度露光する
ことにより、画素間バンクのガラス転移温度および弾性率が上昇する。再度露光すること
によって、バンクのガラス転移温度および弾性率が上昇するメカニズムは、特に限定され
ないが、ステップiiの露光において十分に光重合および光硬化しなかった樹脂材料が、再
度露光することにより、さらに光重合および光硬化するためである。再度露光する際の、
露光量は特に限定されないが、例えば２００～４００ｍＪ／ｃｍ２であり、約３００ｍＪ
／ｃｍ２であることが好ましい。
【００７９】
　画素バンクのガラス転移温度および弾性率が上昇すると、焼成工程の熱によって画素間
バンクの弾性率が低下せず、画素間バンクのエッジがあまり広がらない。このため、画素
間バンクのテーパ角度は大きくなる。一方で再度露光されていない画素－バス間バンクの
ガラス転移温度および弾性率は低いままであるので、焼成工程の熱によって画素－バス間
バンクの弾性率が低下し、画素－バス間バンクのエッジが広がり、画素－バス間バンクの
テーパ角度が小さくなる（図１１Ｅ参照）。これにより、画素－バス間バンクのテーパ角
度を画素間バンクのテーパ角度よりも小さくすることができる。
【００８０】
　３）第３ステップでは、バンクによって規定された領域内に有機層を形成する。有機層
は、バンクによって規定された領域内に塗布された有機層の材料液を乾燥させることで形
成される。有機層はその後ベーク処理によって固定化されてもよい。
【００８１】
　塗布される有機層の材料液は、有機層の材料および溶媒を含む。溶媒の例には、アニソ
ールやシクロヘキシルベンゼンなどの芳香族系の溶媒が含まれる。有機層の材料液を塗布
する手段の例には、インクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、スピンコート、凹
版印刷および凸版印刷などが含まれる。好ましい塗布手段は、インクジェットである。
【００８２】
　ここで、バンクによって規定された領域内に塗布された有機層の材料液が乾燥する過程
で示す挙動について説明する。図５Ａ～Ｃおよび図６Ａ～Ｅは、材料液が乾燥する過程で
示す基本的な挙動を示す模式図である。
【００８３】
　図５Ａは、有機層の材料液をバンクによって規定された領域内に塗布した直後の状態を
示す模式図である。図５Ａに示されるように、材料液１３０は、基板１０１上に形成され
たバンク１０７の上面まで、かつバンクで区切られた隣接する副画素にあふれないように
塗布される。塗布直後においては、液滴端部１３１における表面張力のつりあいによって
、液滴端部１３１の接触角がθとなる。
【００８４】
　材料液１３０が乾燥し始めると、表面張力のつりあいが保たれている間は、図５Ｂに示
されるように、液滴端部１３１が固定された状態で、溶媒の蒸発により接触角がθから後
退角θＲまで減少する。この乾燥様式は、液滴の径が一定であることから、ＣＣＲ（Cons
tant Contact Radius）モードと称される。
【００８５】
　また、後退角θＲは、材料液の性質（粘度など）や、バンク表面の物性（表面自由エネ
ルギーなど）によって変化する。例えば、バンクの表面の濡れ性が低くなれば、後退角θ

Ｒは大きくなる。
【００８６】
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　液滴端部１３１の接触角が後退接触角θＲまで減少すると、液滴端部１３１における表
面張力のつりあいが崩れ、材料液１３０を内部に引き込む力が発生する。その結果、図５
Ｃに示されるように、接触角θＲが固定された状態で、溶媒の蒸発により液滴端部１３１
が内側に向かって移動し、液滴の径が減少する。この乾燥様式は、基板に対する接触角が
一定であることから、ＣＣＡ（Constant Contact Angle）モードと称される。この液滴の
径の減少は、液滴端部１３１がバンクの角（バンクの上面と壁面との境界線）に到達する
まで続く。
【００８７】
　液滴端部１３１がバンク１０７の角に到達すると、図６Ａに示されるように、接触角の
基準面がバンクの上面からバンクの壁面に変わるため、接触角がθ’に増大する。これに
より、接触角が後退接触角よりも大きくなるため、液滴端部１３１における表面張力は再
びつりあう。その結果、図６Ｂに示されるように、液滴端部１３１はバンク１０７の角に
固定された状態で、溶媒の蒸発により接触角がθ’から後退接触角θＲ’まで減少する（
ＣＣＲモード）。
【００８８】
　接触角が後退接触角θＲ’まで減少すると、図６Ｃに示されるように、接触角θＲ’が
固定された状態で、溶媒の蒸発により液滴端部１３１が移動して、液滴の体積が減少する
（ＣＣＡモード）。
【００８９】
　乾燥により液滴端部１３１近傍の溶質の濃度が臨界濃度に達すると、図６Ｄに示される
ように、材料液１３０がゲル化し、液滴端部１３１は１０７の壁面上に固定される。この
ような液滴端部の位置が決定することを「ピンニング」という。特に、材料液の濃度の上
昇（粘度の上昇）によるピンニングを「セルフピンニング」という。セルフピンニングの
後は、図６Ｅに示されるように、液滴端部１３１が固定された状態で乾燥が進み、有機層
１０９が形成される。
【００９０】
　以上のように、バンクによって規定された領域内では、溶液の乾燥は、ＣＣＲモードと
ＣＣＡモードとを交互に繰り返しながら進行する。
【００９１】
　また、バンクの濡れ性を低くした場合、後退接触角が大きくなる。このため、溶媒が蒸
発すると液滴端部１３１の接触角はすぐに後退接触角に達し、液滴端部１３１が移動して
、液滴の体積が減少する（ＣＣＡモード乾燥）時間が長くなる。ＣＣＡモードで乾燥する
時間が長いと、液滴端部１３１近傍の溶質の濃度が臨界濃度に達するまでに、液滴端部１
３１はバンク１０７の壁面のより下部まで移動することができる。
　この結果、液滴端部１３１がバンク１０７の壁面上に固定される位置の高さ（有機層の
端部の高さ）が低くなる。このようにバンクの濡れ性を低くした場合、濡れ性を低くした
バンクの壁面上の有機層の端部の高さを低くできる。
【００９２】
　また、バンクのテーパ角度を小さくした場合、バンク壁面を基準面としたときに液滴端
部１３１の接触角が小さくなる。このため、溶媒が蒸発すると液滴端部１３１の接触角は
すぐに後退接触角θＲ’に達し、液滴端部１３１が移動して、液滴の体積が減少する（Ｃ
ＣＡモード乾燥）時間が長くなる。ＣＣＡモードで乾燥する時間が長いと、液滴端部１３
１近傍の溶質の濃度が臨界濃度に達するまでに、液滴端部１３１はバンク１０７の壁面の
より下部まで移動する。
　この結果、液滴端部１３１がバンク１０７の壁面上に固定される位置の高さ（有機層の
端部の高さ）が低くなる。このようにバンクのテーパ角度を小さくした場合、テーパ角度
を小さくしたバンクの壁面上の有機層の端部の高さを低くできる。
【００９３】
　従来の有機ＥＬディスプレイパネルでは、画素－バス間バンクと画素間バンクとによっ
て規定された領域に形成された有機層の画素－バス間バンク側の端部が高くなるという問
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題があった。これに対し、本発明は、画素－バス間バンクの濡れ性を低くしたり；画素－
バス間バンクのテーパ角度を小さくすることを特徴とする。このため、画素－バス間バン
ク側の有機層の端部の高さを下げることができ、均一な膜厚を有する有機層を形成するこ
とができる。
【００９４】
　４）第４ステップでは、有機層上に対向電極を形成する。対向電極はスパッタリング法
などによって形成されることが好ましい。
【００９５】
　このように本発明によれば、バンクの性状を調節することで、有機層の端部の高さを均
一化して、有機層の膜厚を均一にすることができる。したがって、本発明によれば、発光
特性が優れた有機ＥＬディスプレイパネルを提供することができる。
【００９６】
　以下本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００９７】
　（実施の形態１）
　実施の形態１では、画素－バス間バンクの濡れ性が低い態様について説明する。また、
実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネルは、トップエミッション型である。
【００９８】
　図７は、本発明の実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネル１００の断面の一部拡大
図である。図７に示されるように有機ＥＬディスプレイパネル１００は、基板１０１と、
反射画素電極１０３と、バス電極１０５と、正孔注入層１１１と、正孔輸送層１１３と、
Ｒｅｄ、Ｇｒｅｅｎ、Ｂｌｕｅ三色の有機発光層１１５と、バンク１０７と、対向電極１
１７と、封止膜１１９と、を有する。
【００９９】
　基板１０１は、例えば、ガラス板である。反射画素電極１０３は、例えば、厚さ１００
～２００ｎｍのＡＰＣ合金層である。バス電極１０５は、反射画素電極１０３と同様の材
料からなる。
【０１００】
　正孔注入層１１１は反射画素電極１０３上に配置された厚さ２０～５０ｎｍのタングス
テンオキサイド（ＷＯｘ）からなる層である。
【０１０１】
　正孔輸送層１１３は、正孔注入層１１１上に配置された、ポリアニリンからなる厚さ２
０～１５０ｎｍの層である。
【０１０２】
　有機発光層１１５は、正孔輸送層１１３上に配置された、ポリフルオレンの誘導体から
なる厚さ５０～１５０ｎｍの層である。
【０１０３】
　バンク１０７は、基板１０１上に配置され、正孔輸送層１１３および有機発光層１１５
の領域を規定する。また、バンク１０７は、正孔注入層１１１およびバス電極１０５の一
部を覆うように配置される。
【０１０４】
　バンク１０７には、バス電極１０５と画素電極１０３との間に配置された画素－バス間
バンク１０７ａと、画素電極１０３間に配置される画素間バンク１０７ｂとが含まれる。
本実施の形態では、画素－バス間バンク１０７ａの表面の濡れ性は、画素間バンク１０７
ｂとの表面の濡れ性よりも低い。具体的には、画素－バス間バンク１０７ａの上面におけ
るアニソールの接触角は、４０°以上５５°以下であることが好ましい。一方、画素間バ
ンク１０７ｂの上面におけるアニソールの接触角度は、３０°以上４０°未満であること
が好ましい。
【０１０５】
　このように画素－バス間バンク１０７ａの表面の濡れ性を画素間バンク１０７ｂの表面
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の濡れ性よりも低くすることで、有機層（正孔輸送層、有機発光層）の端部の高さを均一
化することができ、膜厚が均一の有機層を得ることができる。
【０１０６】
　対向電極１１７は、例えばＩＴＯである。封止膜１１９は、例えば窒化シリコンからな
る厚さは、２０～５００ｎｍの層である。
【０１０７】
　次に本実施の形態の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法について説明する。図８Ａ
～Ｄおよび図９Ａ～Ｃは、有機ＥＬディスプレイパネル１００の製造方法の一例を示す模
式図である。
【０１０８】
　図８Ａ～Ｄおよび図９Ａ～Ｃに示されるように、有機ＥＬディスプレイパネル１００の
製造方法は、１）反射画素電極１０３およびバス電極１０５が配置された基板１０１を準
備する第１ステップ（図８Ａ）、２）反射画素電極１０３上に正孔注入層１１１を形成す
る第２ステップ（図８Ｂ）、３）基板１０１上にバンク１０７を形成する第３ステップ（
図８Ｃ）、４）画素間バンク１０７ｂのみに紫外線を照射する第４ステップ（図８Ｄ）、
５）バンク１０７によって規定された領域内の正孔注入層１１１上に正孔輸送層１１３を
形成する第５ステップ（図９Ａ）、６）正孔輸送層１１３上に有機発光層１１５を形成す
る第６ステップ（図９Ｂ）、７）対向電極１１７および封止膜１１９を形成する第７ステ
ップ（図９Ｃ）を有する。
【０１０９】
　１）第１ステップでは、反射画素電極１０３およびバス電極１０５が配置された基板１
０１を準備する。反射画素電極１０３およびバス電極１０５は、例えばスパッタリングな
どにより基板１０１上に形成された導電性膜をエッチングによってパターニングすればよ
い。
【０１１０】
　２）第２ステップでは、反射画素電極１０３上に正孔注入層１１１が、例えばスパッタ
リングによって形成される。
【０１１１】
　３）第３ステップでは、バンク１０７がフォトリソグラフィ法によって形成される。
【０１１２】
　４）第４ステップでは、マスク１２０を介して画素間バンク１０７ｂにのみ紫外線を照
射する。
【０１１３】
　５）第５ステップでは、正孔注入層１１１上に正孔輸送層１１３を形成する。正孔輸送
層１１３は、正孔輸送層１１３の材料液をバンク１０７によって規定された領域内に例え
ばインクジェット法で塗布することで形成される。
【０１１４】
　６）第６ステップでは、正孔輸送層１１３上に有機発光層１１５を形成する。有機発光
層１１５は、有機発光層１１５の材料液をバンク１０７によって規定された領域内に例え
ばインクジェット法で塗布することで形成される。
【０１１５】
　従来の有機ＥＬディスプレイパネルでは、画素－バス間バンクと画素間バンクとによっ
て規定された領域に形成される有機層（正孔輸送層、有機発光層）の画素－バス間バンク
側の端部が高くなるという問題があった（図２Ｅ参照）。しかし本実施の形態では、上述
のように画素－バス間バンク１０７ａの濡れ性を画素間バンク１０７ｂの濡れ性よりも低
くすることで、画素－バス間バンク側の有機層の端部の高さを下げることができる。これ
により、有機層の膜厚を均一にすることができる。
【０１１６】
　７）第７ステップでは、対向電極１１７および封止膜１１９を形成する。対向電極１１
７は、例えば、蒸着法により形成され、封止膜１１９は、例えば、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃ
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ａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法により形成される。
【０１１７】
　このように本発明の実施の形態１によれば、画素－バス間バンクの濡れ性を画素間バン
クの濡れ性よりも低くすることで、有機層（正孔輸送層、有機発光層）の端部の高さを均
一化することができ、膜厚が均一の有機層を得ることができる。また、紫外線の照射によ
って、正孔注入層上のバンクの残渣を除去するという副次的な効果も得られる。画素電極
上のバンクの残渣を除去することで有機ＥＬディスプレイパネルの発光特性を向上させる
ことができる。
【０１１８】
（実施の形態２）
　実施の形態１では、画素－バス間バンクの濡れ性が画素間バンクの濡れ性よりも低い形
態について説明した。実施の形態２では、画素－バス間バンクのテーパ角度が画素間バン
クのテーパ角度よりも小さい例について説明する。
【０１１９】
　図１０Ａは、本発明の実施の形態２の有機ＥＬディスプレイパネル２００の断面の一部
拡大図である。実施の形態２の有機ＥＬディスプレイパネルは、画素－バス間バンクの形
状が異なる以外は、実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネル１００と同じである。有
機ＥＬディスプレイパネル１００と同一の構成要素については、同一の符号を付し、説明
を省略する。
【０１２０】
　図１０Ａに示されるように有機ＥＬディスプレイパネル２００は、画素－バス間バンク
２０７ａと、画素間バンク２０７ｂとを有する。図１０Ｂは、図１０Ａ中の四角Ｘで囲ま
れた領域の拡大図である。図１０Ｂに示されるように画素－バス間バンク２０７ａのテー
パ角度αは、画素間バンク２０７ｂのテーパ角度βよりも小さい。画素－バス間バンク２
０７ａのテーパ角度αは、２０°以上３０°以下であることが好ましく、画素間バンク２
０７ｂのテーパ角度βは、３０°超６０°以下であることが好ましい。
【０１２１】
　このように画素－バス間バンク２０７ａのテーパ角度を画素間バンク２０７ｂのテーパ
角度よりも小さくすることで、有機層（正孔輸送層、有機発光層）の端部の高さを均一化
することができ、膜厚が均一の有機層を得ることができる。
【０１２２】
　次に本実施の形態の有機ＥＬディスプレイパネル２００の製造方法について説明する。
有機ＥＬディスプレイパネル２００の製造方法は、バンクの製造方法が異なる以外は、有
機ＥＬディスプレイパネル１００の製造方法と同じである。したがって、以下、有機ＥＬ
ディスプレイパネル２００の製造方法のうちバンクの製造方法についてのみ説明する。
【０１２３】
　図１１Ａ～図１１Ｅは、有機ＥＬディスプレイパネル２００のバンクの製造方法の一例
を示す模式図である。図１１Ａ～図１１Ｅに示されるように、有機ＥＬディスプレイパネ
ル２００のバンク２０７を製造する方法は、１）基板１０１上にネガ型の感光性樹脂膜１
０６を形成する第１ステップ（図１１Ａ）と、２）感光性樹脂膜１０６を露光し、現像し
てバンク２０７をパターニングする第２ステップ（図１１Ｂ、図１１Ｃ）と、３）画素間
バンク２０７ｂを再度露光する第３ステップ（図１１Ｄ）と、４）バンク２０７を焼成し
て、バンク２０７を基板１０１上に固定する第４ステップ（図１１Ｅ）とを有する。
【０１２４】
　１）第１ステップでは、バス電極１０５、画素電極１０３および正孔注入層１１１が配
置された基板１０１上にネガ型の感光性樹脂膜１０６を形成する。基板１０１上に感光性
樹脂膜１０６を形成するには、感光性樹脂組成物を、スピンコート、ダイコート、スリッ
トコートなどによって感光性樹脂組成物を基板上に塗布し、塗布された膜をベークすれば
よい。
【０１２５】
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　２）第２ステップでは、感光性樹脂膜１０６を露光し、現像してバンク２０７をパター
ニングする。バンク２０７をパターニングすることで、正孔注入層１１１およびバス電極
１０５を露出させる。
【０１２６】
　３）第３ステップでは、画素間バンク２０７ｂを再度露光する。本ステップは、第２ス
テップの後であって、第４ステップの前に行われる。再度露光する際における露光量は、
例えば３００ｍＪ／ｃｍ２である。画素間バンクを再度露光することによって、画素間バ
ンク２０７ｂのガラス転移温度および弾性率が上昇する。
【０１２７】
　４）第４ステップでは、パターニングされたバンク２０７を焼成する。上述のように画
素バンク２０７ｂのガラス転移温度および弾性率は高いので、焼成工程の熱によって画素
間バンク２０７ｂの弾性率が低下せず、画素間バンク２０７ｂのエッジがあまり広がらな
い。このため、画素間バンク２０７ｂのテーパ角度は大きくなる。一方で再度露光されて
いない画素－バス間バンク２０７ａのガラス転移温度および弾性率は低いままであるので
、焼成工程の熱によって画素－バス間バンク２０７ａの弾性率が低下し、画素－バス間バ
ンク２０７ａのエッジが広がり、画素－バス間バンク２０７ａのテーパ角度が小さくなる
。これにより、画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間バンクのテーパ角度よりも小さ
くすることができる。
【０１２８】
　従来の有機ＥＬディスプレイパネルでは、画素－バス間バンクと画素間バンクとによっ
て規定された領域に形成される有機層（正孔輸送層、有機発光層）の画素－バス間バンク
側の端部が高くなるという問題があった（図２Ｅ参照）。しかし本実施の形態では、上述
のように画素－バス間バンク２０７ａのテーパ角度を画素間バンク２０７ｂのテーパ角度
よりも小さくすることで、画素－バス間バンク２０７ａ側の有機層の端部の高さを下げる
ことができる。これにより、有機層の膜厚を均一にすることができる。
【０１２９】
　このように本発明の実施の形態２によれば、画素－バス間バンクのテーパ角度を画素間
バンクのテーパ角度よりも低くすることで、有機層（正孔輸送層、有機発光層）の端部の
高さを均一化することができ、膜厚が均一の有機層を得ることができる。
【０１３０】
　本出願は、２００９年６月４日出願の特願２００９－１３５３２２に基づく優先権を主
張する。当該出願明細書に記載された内容は、すべて本願明細書に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
　本発明によれば、バス電極を有する場合であっても、有機層の膜厚のばらつきを抑制す
ることができ、発光特性に優れた有機ＥＬディスプレイパネルを提供することができる。
【符号の説明】
【０１３２】
　１００、２００　有機ＥＬディスプレイパネル
　１０１　基板
　１０３　画素電極
　１０５　バス電極
　１０６　感光性樹脂膜
　１０７　バンク
　１０７ａ、２０７ａ　画素－バス間バンク
　１０７ｂ、２０７ｂ　画素間バンク
　１０９　有機層
　１１１　正孔注入層
　１１３　正孔輸送層
　１１５　有機発光層
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　１１７　対向電極
　１１９　封止膜
　１２０　マスク
　１３０　材料液
　１３１　液滴端部
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に配列された２以上の画素電極と、
　少なくとも一つの前記画素電極の隣に位置し、前記基板上に配置されたバス電極と、
　前記画素電極上に配置された有機層と、
　前記基板上に配置され、前記有機層の配置領域を規定する２以上のバンクと、
　前記有機層上に配置され、前記バス電極と接続された対向電極と、を有する有機ＥＬデ
ィスプレイパネルであって、
　前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバンクと、
前記画素電極間に配置されたバンクとが、含まれ、
　前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバンクの表面の濡れ性は、前記画素電
極間に配置されたバンクの濡れ性よりも低い、有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項２】
　前記画素電極間に配置されたバンクの上面におけるアニソールの接触角は、３０°以上
４０°未満であり、
　前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバンクの上面におけるアニソールの接
触角は、４０°以上５５°以下である、請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項３】
　前記２以上のバンクは、それぞれフッ素含有樹脂を含む、請求項１に記載の有機ＥＬデ
ィスプレイパネル。
【請求項４】
　前記画素電極上に配置された正孔注入層をさらに有し、
　前記有機層は、前記正孔注入層上に配置された正孔輸送層と、前記正孔輸送層上に配置
された有機発光層とを含む、請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項５】
　基板と、
　前記基板上に配列された２以上の画素電極と、
　少なくとも一つの前記画素電極の隣に位置し、前記基板上に配置されたバス電極と、
　前記画素電極上に配置された有機層と、
　前記基板上に配置され、前記有機層の配置領域を規定する２以上のバンクと、
　前記有機層上に配置され、前記バス電極と接続された対向電極と、を有する有機ＥＬデ
ィスプレイパネルであって、
　前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバンクと、
前記画素電極間に配置されたバンクと、が含まれ、
　前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバンクの前記画素電極側のテーパ角度
は、前記画素電極間に配置されたバンクのテーパ角度よりも小さい、有機ＥＬディスプレ
イパネル。
【請求項６】
　前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバンクの前記画素電極側のテーパ角度
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は、２０°以上３０°以下であり、
　前記画素電極間に配置されたバンクのテーパ角度は、３０°超６０°以下である、請求
項５に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項７】
　前記２以上のバンクは、それぞれフッ素含有樹脂を含む、請求項５に記載の有機ＥＬデ
ィスプレイパネル。
【請求項８】
　前記画素電極上に配置された正孔注入層をさらに有し、
　前記有機層は、前記正孔注入層上に配置された正孔輸送層と、前記正孔輸送層上に配置
された有機発光層とを含む、請求項５に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項９】
　２以上の画素電極と、少なくとも一つの前記画素電極の隣に位置するバス電極と、が配
置された基板を準備するステップと；
　前記基板上に感光性樹脂膜を形成するステップと；
　前記感光性樹脂膜を露光し、現像して、２以上のバンクをパターニングするステップで
あって、前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバン
クと、前記画素電極間に配置されたバンクと、が含まれ；
　前記２以上のバンクを焼成して、前記２以上のバンクを前記基板上に固定するステップ
と；
　前記焼成後、前記画素電極間に配置されたバンクのみに選択的に活性光線を照射するス
テップと；
　前記２以上のバンクによって規定された領域内の前記画素電極上に有機層の材料を含む
インクを塗布して、有機層を形成するステップと；を有する有機ＥＬディスプレイパネル
の製造方法。
【請求項１０】
　２以上の画素電極と、少なくとも一つの前記画素電極の隣に位置するバス電極と、が配
置された基板を準備するステップと；
　前記基板上にネガ型の感光性樹脂膜を形成するステップと；
　前記感光性樹脂膜を露光し、現像して、２以上のバンクをパターニングするステップで
あって、前記２以上のバンクには、前記バス電極と前記画素電極との間に配置されたバン
クと、前記画素電極間に配置されたバンクと、が含まれ；
　前記現像後、前記画素電極間に配置されたバンクのみを再度露光するステップと；
　前記２以上のバンクを焼成して、前記２以上のバンクを前記基板上に固定するステップ
と；
　前記２以上のバンクによって規定された領域内の前記画素電極上に有機層の材料を含む
インクを塗布して、有機層を形成するステップと；を有する有機ＥＬディスプレイパネル
の製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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